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(57)【要約】
　構造が簡単であって、エネルギ効率のよい加工対象物
処理を可能にする処理設備を提供するために、処理設備
が、複数の処理室区画を備えた処理室を有し、処理室区
画がそれぞれ処理設備の複数の別々の循環空気モジュー
ルの１つに関連づけられており、加熱ガスガイドを備え
た加熱設備を有し、その場合に複数の循環空気モジュー
ルが、特に処理室区画を通して案内されるガスを加熱す
るために、加熱ガスガイドと連結されていることが、提
案される。
【選択図】図１



(2) JP 2019-505754 A 2019.2.28

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　加工対象物を処理する処理設備（１００）であって、
　－複数の処理室区画を有する処理室であって、前記複数の処理室区画がそれぞれ当該処
理設備（１００）の複数の別々の循環空気モジュール（１１６）の１つに関連づけられて
いる処理室と、
　－加熱ガスガイド（１３６）を有する加熱設備（１２６）と、を具備し、
　複数の循環空気モジュール（１１６）が、特に前記処理室区画（１１４）を通して案内
される前記ガスを加熱するために、前記加熱ガスガイド（１３６）と連結されている処理
設備。
【請求項２】
　前記加熱設備（１２６）が加熱装置（１２８）と熱伝達器（１３４）を有し、前記熱伝
達器によって、前記加熱装置（１２８）内で発生された熱が、前記加熱ガスガイド（１３
６）内で案内される加熱ガスへ伝達可能であり、前記熱伝達器（１３４）が複数段で形成
されていることを特徴とする請求項１に記載の処理設備（１００）。
【請求項３】
　前記熱伝達器（１３４）の複数の熱伝達段（３０２）が、空間的に１方向に互いに連続
して配置されており、及び／又は、熱を放出する加熱ガス、例えば燃焼装置の排ガスが、
前記方向において前記熱伝達段（３０２）を次々に貫流するように、流体的に互いに接続
されていることを特徴とする請求項２に記載の処理設備（１００）。
【請求項４】
　冷ガスが、それぞれ先行する前記熱伝達段（３０２）に関して、１つ又は複数のより熱
い熱伝達段（３０２）と１つ又は複数のより冷たい熱伝達段と（３０２）を交互に貫流す
るようにして、加熱ガス、例えば燃焼装置の排ガスと、前記冷ガス、例えば加熱すべき前
記加熱ガスが、熱伝達器（１３４）及び／又は熱伝達器（１３４）の熱伝達区画（３１２
）を貫流可能であることを特徴とする請求項２又は３に記載の処理設備（１００）。
【請求項５】
　当該処理設備（１００）の複数の熱伝達器（１３４）が一緒になって熱伝達装置（３０
０）を形成し、前記熱伝達器（１３４）が空間的に互いに隣接する前記熱伝達装置（３０
０）の熱伝達区画（３１２）を形成していることを特徴とする請求項２から４のいずれか
１項に記載の処理設備（１００）。
【請求項６】
　熱源を形成する加熱ガス、例えば燃焼装置の排ガスが、すべての熱伝達区画（３１２）
の前記熱伝達段（３０２）を次々と貫流可能であり、ヒートシンクを形成し且つ前記加熱
ガスからの熱伝達によって加熱すべき複数の冷ガスが設けられており、加熱すべき冷ガス
のそれぞれが各熱伝達区画（３１２）に関連づけられていることを特徴とする請求項５に
記載の処理設備（１００）。
【請求項７】
　冷ガスが前記加熱ガスであり、及び／又は、
　冷ガスが、１つ又は複数の循環空気ガイド（１１８）及び／又は循環空気モジュール（
１１６）の循環空気であり、及び／又は、
　冷ガスが新鮮ガス、特に新鮮空気であることを特徴とする請求項６に記載の処理設備（
１００）。
【請求項８】
　熱伝達器（１３４）及び／又は熱伝達装置（３００）が、複数の中空円筒状のパイプ（
３０４）を備えるパイプ束熱伝達器（３２０）を有し、前記中空円筒状のパイプ（３０４
）を包囲する空間（３０６）が、複数の分離部材（３０８）によって、互いに分離された
熱伝達領域及び／又は熱伝達区画（３１２）及び／又は熱伝達段（３０２）に分割されて
いることを特徴とする請求項２から７のいずれか１項に記載の処理設備（１００）。
【請求項９】
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　例えば１つ又は複数の送風機（１２０）を開ループ制御及び／又は閉ループ制御するた
めに適合された制御装置を使用しながら、圧力開ループ制御及び／又は圧力閉ループ制御
を用いて、隣接する熱伝達領域及び／又は熱伝達区画（３１２）及び／又は熱伝達段（３
０２）の間の圧力勾配が、次のように、すなわちより少ない凝縮リスクを有するより冷た
い冷ガスが、熱伝達領域及び／又は熱伝達区画（３１２）及び／又は熱伝達段（３０２）
から、分離部材（３０８）を通して、隣接する、より高い凝縮リスクを有するより熱い冷
ガスが配置されている、熱伝達領域及び／又は熱伝達区画（３１２）及び／又は熱伝達段
（３０２）へ流れるように、発生可能及び／又は維持可能であることを特徴とする請求項
８に記載の処理設備（１００）。
【請求項１０】
　２つの熱伝達領域及び／又は２つの熱伝達区画（３１２）及び／又は２つの熱伝達段（
３０２）が２つの分離部材（３０８）によって互いに分離されており、前記２つの分離部
材（３０８）の間に間隙領域（３１４）が形成され、前記間隙領域（３１４）へ、好まし
くは遮断空気、特に新鮮空気が供給可能であることを特徴とする請求項８又は９のいずれ
か１項に記載の処理設備（１００）。
【請求項１１】
　前記加熱装置（１２８）が、前記処理室区画（１１４）を通して案内される前記ガスを
直接加熱するための燃焼装置を有し、前記燃焼装置からの排ガスが前記加熱ガス流として
又は前記加熱ガス流の一部として、前記燃焼室区画（１１４）へ供給可能であることを特
徴とする請求項１から１０のいずれか１項に記載の処理設備（１００）。
【請求項１２】
　前記燃焼装置が、排ガスを発生させるために、ガスバーナー及び／又はガスタービン、
特にマイクロガスタービンを有していることを特徴とする請求項１１に記載の処理設備（
１００）。
【請求項１３】
　１つ又は複数の循環空気モジュール（１１６）及び／又は１つ又は複数の循環空気ガイ
ド（１１８）が、特にインジェクタ原理に従って前記処理室（１１２）へ加熱ガス流を供
給するために、それぞれ１つ又は複数のインジェクタ装置を有していることを特徴とする
請求項１１又は１２に記載の処理設備（１００）。
【請求項１４】
　前記加熱ガス流が、それぞれの前記インジェクタ装置の１つ又は複数のインジェクタノ
ズルによって、少なくとも約１０ｍ／ｓの、好ましくは少なくとも約１５ｍ／ｓの、及び
／又は、最大で約４０ｍｓ／ｓの、好ましくは最大で約３０ｍ／ｓの、例えば約２０ｍ／
ｓと約２５ｍ／ｓの間の流れ速度で前記処理室（１１２）内へ導入可能であることを特徴
とする請求項１３に記載の処理設備（１００）。
【請求項１５】
　前記加熱ガス流が、それぞれの前記インジェクタ装置の１つ又は複数のインジェクタノ
ズルによって、少なくとも約１０ｍｍの、好ましくは少なくとも約５０ｍｍの、及び／又
は、最大で約２００ｍｍの、好ましくは最大で約１５０ｍｍの、例えば約８０ｍｍと約１
００ｍｍの間のビーム直径をもって、前記処理室（１１２）内へ導入可能であることを特
徴とする請求項１３又は１４のいずれか１項に記載の処理設備（１００）。
【請求項１６】
　前記加熱ガス流が、それぞれの前記インジェクタ装置の１つ又は複数のインジェクタノ
ズルによって、少なくとも約１５０℃、好ましくは少なくとも約２００℃、及び／又は、
最大で約５００℃、好ましくは最大で約４５０℃の、例えば約２５０℃と約４００℃の間
の温度で前記処理室内へ導入可能であることを特徴とする請求項１３から１５のいずれか
１項に記載の処理設備（１００）。
【請求項１７】
　加工対象物（１０２）を処理する方法であって、
　－別々の循環内で案内される複数のガス流が、処理設備（１００）の処理室（１１２）
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の複数の処理室区画（１１４）を貫流することと、
　－前記処理設備（１００）の加熱設備（１２６）の加熱ガスガイド（１３６）内で案内
される加熱ガス流によってガス流を加熱すること、を有する、方法。
【請求項１８】
　前記加熱ガスガイド（１３６）内で案内される加熱ガス流が、その前記加熱ガス流を加
熱するために、熱伝達器（１３４）の複数の熱伝達段（３０２）に次々と供給されること
を特徴とする請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記処理室区画（１１４）を通して案内される前記ガスを直接加熱するために、燃焼装
置からの排ガス流が、前記加熱ガス流として又は前記加熱ガス流の一部として、処理室区
画（１１４）へ供給されることを特徴とする請求項１７又は１８に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、加工対象物を処理する処理設備及び方法に関する。特に処理設備は、コーテ
ィングされた車両本体を乾燥させるために用いられる。したがって加工対象物を処理する
方法は、コーティングされた車両本体を乾燥させる方法である。
【背景技術】
【０００２】
　処理設備と処理方法は、特に特許文献１、特許文献２、特許文献３及び特許文献４から
知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】欧州特許第１９９８１２９（Ｂ１）号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２００６／００６８０９４（Ａ１）号明細書
【特許文献３】欧州特許出願公開第１３０２７３７（Ａ２）号明細書
【特許文献４】国際公開第０２／０７３１０９（Ａ１）号パンフレット
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の課題は、構造が簡単であって、エネルギ効率のよい加工対象物の処理を可能に
する処理設備を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　この課題は、本発明によれば、加工対象物を処理する処理設備が次のものを有すること
によって解決される：
　複数の処理室区画を備えた処理室を有し、処理室区画がそれぞれ処理設備の複数の別々
の循環空気モジュールの１つに関連づけられている；
　加熱ガスガイド（導管）を備えた加熱設備を有し、その場合に複数の循環空気モジュー
ルが、特に処理室区画を通して案内されるガスを加熱するために、加熱ガスガイドと連結
されている。
【０００６】
　本発明に係る処理設備が、加熱ガスガイドを備えた加熱設備を有し、その加熱ガスガイ
ドが循環空気モジュールと連結されていることによって、処理室区画へ供給すべきガスが
簡単且つ効率的に加熱可能である。それによって処理設備は、好ましくは特にエネルギ効
率よく駆動することができる。
【０００７】
　加熱ガスガイドは、好ましくはそれ自体閉成されて、例えばリング形状に閉成されて、
形成されているので、加熱ガスガイド内で案内される加熱ガス流の少なくとも部分ガス流
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は、何回も加熱ガスガイドを貫流する。
【０００８】
　加熱ガスは、好ましくは生ガス及び／又は純ガスであって、それは、処理室内で使用す
るのに、すなわち処理室を貫流するのに、適しており、及び／又はそのために設けられて
いる。
【０００９】
　加熱ガスは、好ましくは処理室区画の少なくともすぐ上流において、循環空気モジュー
ル及び／又は処理室区画内のガス流に比較して高められた温度を有している。
【００１０】
　好ましくは、加熱ガスは、加熱設備の加熱装置の排ガスではなく、特に燃焼排ガスでは
ない。
【００１１】
　「それ自体閉成された加熱ガスガイド」というのは、特に、その中で加熱ガス流の少な
くとも一部が循環して案内される、加熱ガスガイドである。それとは関係なく、好ましく
は、それ自体閉成された加熱ガスガイドにおいて、加熱ガス流へ新鮮ガスを連続的又は段
階的に供給すること、及び／又は加熱ガス流から加熱ガスを導出することも、行うことが
できる。
【００１２】
　新鮮ガスの供給と加熱ガスの導出、すなわち加熱ガスの交換が、好ましくは加熱ガス流
が加熱ガスガイドを１回通過する場合に、加熱ガスガイドの所定の箇所を通過して流れる
加熱ガス流の少なくとも４０％、好ましくは少なくとも約５０％、特に少なくとも約８０
％、例えば少なくとも約９０％が、完全な通過後にこの箇所へ新たに達するように、寸法
設計されていると、好ましい場合がある。
【００１３】
　新鮮ガス流の供給及び／又は加熱ガス流からの加熱ガスの導出は、好ましくは、処理設
備の処理室区画及び／又は循環空気モジュール内でのみ行われる。
【００１４】
　しかしまた、加熱設備に新鮮ガス供給及び／又は排ガス搬出を関連づけることもでき、
それを用いて処理室区画の外部及び／又は循環空気モジュールの外部において新鮮ガスを
供給し、もしくは加熱ガス流から加熱ガスを導出することができる。
【００１５】
　循環空気モジュール及び／又は処理室区画は、好ましくは加熱ガスガイドの構成要素で
ある。
【００１６】
　特に加熱ガスは、好ましくは少なくとも部分的に何回か処理室区画を通して案内するこ
とができ、その後に（新たに）加熱ガスガイドの、循環空気モジュールの外部及び／又は
処理室区画の外部に位置する部分を貫流する。
【００１７】
　本発明の形態において、加熱ガスガイドが循環空気ガイド（導管）を有することができ
、その循環空気ガイドが部分的に、複数の並列に配置された循環空気モジュール及び／又
は処理室区画によって形成される。
【００１８】
　循環空気モジュール及び／又は処理室区画内で、好ましくはガス流が循環空気回路内で
案内可能であって、その循環空気回路へ加熱ガスガイドから加熱ガスが供給可能である。
好ましくは、各循環空気モジュール及び／又は処理室区画の、循環して案内されるガス流
の部分ガス流が、循環空気モジュール及び／又は処理室区画から導出可能であって、加熱
ガスガイドによって閉成された循環内で案内可能であり、最終的に加熱ガス流の一部とし
て新たに１つ又は複数の循環空気モジュール及び／又は処理室区画へ供給可能である。
【００１９】
　好ましくは処理設備が移送装置を有しており、その移送装置によって加工対象物が処理
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室へ供給可能であり、処理室から導出可能であり、及び／又は移送装置の移送方向に処理
室を通して移送可能である。
【００２０】
　処理室区画及び／又は循環空気モジュールは、好ましくは移送方向に互いに連続して配
置されている。
【００２１】
　循環空気モジュールが、互いに独立した循環空気モジュールであると、効果的であり得
る。
【００２２】
　循環空気モジュール、特に各循環空気モジュールが、好ましくは以下のものを有してい
る：
　ガスを処理室区画へ供給するためのガス供給；及び／又は
　処理室区画からガスを導出するためのガス導出；及び／又は
　（循環空気）ガス流を駆動するための送風機装置；及び／又は
　（循環空気）ガス流から不純物を分離するための分離装置；及び／又は
　処理室区画へ供給すべき（循環空気）ガス流をガス供給の複数の入口開口部へ分配する
ための分配装置；及び／又は
　収集装置、この収集装置によってガス導出の複数の出口開口部（還流開口部）を通して
処理室から導出された（循環空気）ガス流をまとめて案内することができる。
【００２３】
　各循環空気モジュールは、好ましくは、付属の処理室と共に処理設備の１つの、特に完
全な、区画を形成する。
【００２４】
　この明細書及び請求項において、「循環空気」という概念は、必ずしもガスとしての「
空気」に限定されない。むしろ「循環空気」という概念は、好ましくは循環（循環空気回
路）内で案内されるガスを表し、それが特に何回か処理され、及び／又は再利用される。
【００２５】
　同様に、「供給空気」、「供給空気流」「導出空気」及び「導出空気流」は、必ずしも
ガスとしての「空気」に限定されず、むしろまったく一般的に、循環空気回路内で案内さ
れるガス（供給空気、供給空気流）もしくは循環空気回路から導出されるガス（排出空気
、排出空気流）を表す。
【００２６】
　本発明の形態において、加熱設備は加熱装置と熱伝達器（熱交換器）とを有することが
でき、その熱伝達器によって、加熱装置内で発生された熱を加熱ガスガイド内で案内され
る加熱ガスへ伝達することができる。
【００２７】
　熱伝達器は、特に、加熱装置の排ガス内に含まれる熱を加熱ガスの加熱に利用すること
ができるようにするために、加熱装置の排ガスレーン内に配置されている。
【００２８】
　処理設備が、加熱設備とは異なる、及び／又は独立した新鮮ガス供給を有しており、そ
れを用いて新鮮ガスが処理室へ供給可能であると、効果的であり得る。
【００２９】
　新鮮ガスは、好ましくは加熱ガス流とは関係なく、循環空気モジュール及び／又は処理
室区画内で案内されるガス流へ、そしてそれに伴って処理室へ、供給可能である。
【００３０】
　さらに、新鮮空気流を少なくとも部分的にロックガス流として利用することができ、そ
のようにして処理室へ供給することができる。
【００３１】
　処理設備が新鮮ガス供給を有し、それを用いて新鮮ガスが、加熱ガスガイド内で案内さ
れる加熱ガス流へ供給可能であると、効果的であり得る。
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【００３２】
　新鮮ガス供給は、好ましくは、特に処理室内の実際の熱需要に従って、制御装置によっ
て開ループ制御可能及び／又は閉ループ制御可能である。
【００３３】
　新鮮ガス流が少なくとも近似的に一定の体積流及び／又は質量流をもって、１つ又は複
数のロックへ、特に入口ロック及び／又は出口ロックへ供給可能であると、好ましい場合
がある。
【００３４】
　その代わりに、あるいはそれに加えて、新鮮ガス流は可変の体積流及び／又は質量流を
もって１つ又は複数のロックへ、特に入口ロック及び／又は出口ロックへ供給可能とする
ことができる。
【００３５】
　少なくとも近似的に一定の体積流及び／又は質量流は、特に時間的に処理室内の実際の
熱需要に依存しない。
【００３６】
　可変の体積流及び／又は質量流は、好ましくは、処理室内の実際の熱需要に従って適合
され、及び／又は、開ループ制御及び／又は閉ループ制御される。
【００３７】
　さらに、少なくとも近似的に一定の体積流及び／又は質量流を有する新鮮ガス流を加熱
ガス流へ供給可能とすることができる。
【００３８】
　その代わりに、あるいはそれに加えて、可変の体積流及び／又は質量流を有する新鮮ガ
ス流を加熱ガス流へ供給可能とすることができる。
【００３９】
　特に少なくとも近似的に一定の体積流及び／又は質量流を有する、新鮮ガス流は、好ま
しくは、この新鮮ガス流によって処理設備の平均的な新鮮空気需要の少なくとも約３０％
、特に少なくとも約４０％、例えば約５０％がカバーされるように、選択されている。こ
の新鮮ガス流は、特に１つ又は複数のロックへ供給される新鮮ガス流である。
【００４０】
　特に可変の体積流及び／又は質量流を有する、他の新鮮ガス流は、これによって処理設
備の平均的な新鮮空気需要の少なくとも約３０％、特に少なくとも約４０％、例えば約５
０％がカバーされるように、選択されている。この新鮮ガス流は、特に中央で加熱ガス流
へ供給される新鮮ガス流である。
【００４１】
　新鮮ガス供給は、特に加熱装置の排ガスから熱を、新鮮ガス供給によって供給すべき新
鮮ガスへ伝達するために、加熱装置の排ガスレーンへの熱伝達器と連結されている。
【００４２】
　新鮮ガスを加熱するための熱伝達器は、好ましくは、加熱ガスを加熱するための熱伝達
器とは異なる熱伝達器である。
【００４３】
　それとは異なり、共通の熱伝達器の互いに異なる区画を、一方で新鮮ガスを加熱するた
め、そして他方では加熱ガスを加熱するために用いることができる。その場合に新鮮ガス
供給と加熱ガスガイドは、特に共通の熱伝達器を有する。その場合に特に、好ましくは、
熱伝達器の冷側が複数のセグメントに分割されている。特に複数の互いに独立して貫流可
能且つ流体的に有効に互いに分離されたセグメントを設けることができる。
【００４４】
　処理設備は、好ましくは１つ又は複数のロックを有しており、そのロックは特に新鮮ガ
スロックとして形成され、且つ新鮮ガスによって貫流され、あるいは貫流可能である。
【００４５】
　その代わりに、あるいはそれに加えて、処理設備が１つ又は複数の循環空気ロックを有
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することができ、その循環空気ロックは循環空気によって、すなわち循環内で案内される
ガス流によった貫流され、あるいは貫流可能である。そのために特に、各循環空気ロック
を循環空気モジュールに関連づけることができる。
【００４６】
　特に、処理設備が循環空気ロックを有する場合に、新鮮ガス流が直接加熱ガス流に混合
され、あるいは混合可能とすることができる。それによって新鮮ガスを処理室へ供給する
ための別体の新鮮ガス導管を省くことができる。
【００４７】
　加熱ガスガイドが中央の加熱ガス導管を有し、その中で加熱ガスが案内され、あるいは
案内可能であり、且つその加熱ガス導管によって複数の循環空気モジュール及び／又は処
理室区画へ加熱ガイドから加熱ガスが供給可能であると、効果的であることができ、その
場合に加熱ガスは直接あるいは循環空気モジュールを介して間接的にそれぞれの処理室区
画内へ導入可能である。
【００４８】
　したがって加熱ガスガイドは、好ましくは、供給空気を処理室区画内の循環空気回路へ
供給するための供給空気ガイドを形成する。
【００４９】
　さらに、加熱ガスガイドが中央の加熱ガス導管を有することができ、その中で加熱ガス
が案内され、あるいは案内可能であって、且つその加熱ガス導管を用いてガスが循環空気
モジュールから、及び／又は処理室区画から導出可能である。
【００５０】
　したがって加熱ガスガイドは、好ましくは、循環空気モジュール内で循環して案内され
るガス流から排出空気を導出するための排出空気ガイドを形成している。
【００５１】
　加熱ガスガイドが中央の加熱ガス導管を有し、それを用いて加熱ガスがリング状に加熱
ガスを加熱するための熱伝達器から複数の循環空気モジュール及び／又は処理室区画へ、
そして新たに熱伝達器へ戻るように案内可能であると、好ましい場合がある。
【００５２】
　その代わりに、あるいはそれに加えて、加熱ガスガイドが中央の加熱ガス導管を有して
おり、それを用いて、特に加熱ガスとして用いられるガスが、１つ又は複数の循環空気モ
ジュール及び／又は処理室区画から導出可能であり、且つそれを加熱するために熱伝達器
へ供給可能であり、そして次に１つ又は複数の循環空気モジュール及び／又は処理室区画
へ案内可能であるように、することができる。
【００５３】
　加熱ガスガイド内で案内される加熱ガスは、好ましくは１つの送風機により、あるいは
複数の送風機によって駆動可能である。
【００５４】
　加熱ガスガイドが、加熱ガスガイド内で案内される加熱ガス流を循環空気モジュール及
び／又は処理室区画へ分配するために複数の分枝又は分岐を有することができる。
【００５５】
　特に、加熱ガスガイドが、循環空気モジュール及び／又は処理室区画に沿って延びるメ
イン供給導管を有することができ、そのメイン供給導管から加熱ガス流の一部が分岐可能
であり、且つそれぞれの循環空気モジュール及び／又は処理室区画へ供給可能である。
【００５６】
　メイン供給導管は、例えば処理室の外部において、特に処理室区画全体の外部において
、及び／又は移動方向に対して平行に延びることができる。
【００５７】
　好ましくは、メイン供給導管は、特にすべての循環空気ガイドに加熱ガスを供給するこ
とができるようにするために、少なくとも近似的に処理室の長さ全体にわたって延びてい
る。
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【００５８】
　さらに、メイン供給導管は、処理室の内部及び／又は移送方向に対して平行に延びるこ
とができる。例えば、メイン供給導管は、移送装置の互いに対して平行且つ移送方向に対
して平行に延びる２つの移送ユニットの間の中間領域内に配置することができる。
【００５９】
　メイン供給導管は、好ましくは処理室の床内に統合され、あるいは処理室の床上に直接
配置されている。
【００６０】
　メイン供給導管が、処理すべき加工対象物の下方を通って延び、及び／又は処理すべき
加工対象物の完全に下方で、特に処理すべき加工対象物のすぐ下方に配置されていると、
好ましい場合がある。それによってメイン供給導管は、特に熱放射により、及び／又は対
流によって、処理室を通して案内されるガス流の加熱に、及び／又は処理すべき加工対象
物の加熱に、寄与することができる。
【００６１】
　メイン供給導管は、特に処理室区画全体を通って、及び／又は処理室区画全体内へ、延
びている。
【００６２】
　メイン供給導管が矩形通路として形成されており、その矩形通路が移送方向に対して垂
直に見て、移送方向に対して垂直に見た、メイン供給導管の高さの少なくとも３倍、特に
少なくとも５倍、例えば少なくとも１０倍となる幅を有していると、好ましい場合がある
。
【００６３】
　メイン供給通路が、流入弁を介して直接、循環空気モジュール及び／又は循環空気ガイ
ドの還流導管内へ連通していると、好ましい場合がある。
【００６４】
　最終的に循環空気モジュール及び／又は処理室区画へ加熱ガスを供給するための複数の
供給空気流を得るために、分枝又は分岐を用いて、加熱ガス流が効果的に分配可能である
。
【００６５】
　加熱ガスガイドがメイン分岐部を有しており、それを用いて加熱ガス流全体が第１の加
熱ガス部分流と第２の加熱ガス部分流へ分配可能であって、その場合に第１の加熱ガス部
分流が、処理設備の移送装置の移送方向に関して第１の循環空気モジュールへ、あるいは
最初のｎ番目までの循環空気モジュールへ、及び／又は第１の処理室区画へ、あるいは最
初のｎ番目までの処理室区画へ供給可能であり、且つその場合に第２の加熱ガス部分流が
好ましくは他のすべての循環空気モジュール及び／又は処理室区画へ分配可能であると、
効果的であり得る。
【００６６】
　第１の循環空気モジュールは、好ましくは処理室区画に関連づけられた循環空気モジュ
ールである。しかしまた、この第１の循環空気モジュールが、循環空気ロックに関連づけ
られた循環空気モジュールであってもよい。
【００６７】
　加熱ガスガイドが、循環空気モジュール及び／又は処理室区画から導出された複数のガ
ス流をまとめて案内するための複数の合流部を有していると、好ましい場合がある。
【００６８】
　特に、それによって好ましくは、循環空気モジュール及び／又は処理室区画からの排出
空気流をまとめて案内することができ、且つ加熱ガス全体流として新たに加熱可能であっ
て、且つ最終的に新たに循環空気モジュール及び／又は処理室区画へ供給可能である。
【００６９】
　加熱ガスガイドがメイン合流部を有することができ、それを用いて、処理設備の移送装
置の移送方向に関して第１の循環空気モジュール又は最初のｎ番目までの循環空気モジュ
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ール及び／又は第１の処理室区画又は最初のｎ番目までの処理室区画の排ガス流が、すで
にまとめて案内されている、他のすべての循環空気モジュール及び／又は処理室区画の排
ガス流と共に、一緒に案内可能である。
【００７０】
　メイン分岐部及び／又はメイン合流部の使用は、特に、加熱ガス流全体を唯一の流れ方
向においてメイン供給導管及び／又はメイン導出導管を通して案内する必要がないように
するために、加熱ガス導管のメイン供給導管及び／又はメイン導出導管の通路横断面を減
少させるために、用いることができる。
【００７１】
　各循環空気モジュール及び／又は各処理室区画は、流入弁及び／又は排出弁を有するこ
とができ、それを用いて循環空気モジュール及び／又は処理室区画へ供給すべき加熱ガス
流の体積流及び／又は循環空気モジュール及び／又は処理室区画から導出されるガス流の
体積流を開ループ制御及び／又は閉ループ制御することができる。
【００７２】
　好ましくはそれによって、それぞれの循環空気モジュール及び／又は処理室区画内で案
内される循環空気流の供給空気流及び／又は排出空気流が開ループ制御可能及び／又は閉
ループ制御可能である。
【００７３】
　処理設備は、好ましくは制御装置を有しており、それを用いて循環空気モジュール及び
／又は処理室区画へ供給すべき加熱ガス流の体積流及び／又は循環空気モジュールから、
及び／又は処理室区画から導出されるガス流の体積流が開ループ制御可能及び／又は閉ル
ープ制御である。
【００７４】
　好ましくは制御装置を用いて体積流を制御することにより、常に、それぞれの循環空気
モジュール及び／又は処理室区画内で案内される循環空気流の所望の温度が実質的に一定
であるような量の加熱ガスが、それぞれの循環空気モジュール及び／又は処理室区画へ供
給可能である。
【００７５】
　制御装置は、好ましくは、上述した機能が実施可能であり、及び／又は上述したパラメ
ータが維持され、特に少なくとも近似的に一定に維持されるように、形成され、且つ整え
られている。
【００７６】
　処理設備が制御装置を有し、その制御装置を用いて、加熱ガスガイド内で案内される加
熱ガス流の少なくとも近似的に一定の体積流が維持可能であると、好ましい場合がある。
その場合に特に、加熱ガス流を駆動する加熱ガスガイドの送風機を、例えば駆動出力の変
化によって、開ループ制御及び／又は閉ループ制御することができる。
【００７７】
　加熱ガス流を駆動するための送風機（又はベンチレータとも称される）は、好ましくは
周波数コンバータを有しており、それを介して開ループ制御及び／又は閉ループ制御を行
うことができる。
【００７８】
　好ましくは、加熱ガスガイドの送風機の開ループ制御及び／又は閉ループ制御によって
、処理設備の全エネルギ需要における変動、特に加熱需要における変動を補償することが
できる。
【００７９】
　その代わりに、あるいはそれに加えて、特に、加熱需要が少ない場合にすでに加熱ガス
流の小さい体積流が調節されており、特に体積流が最小値に減少されている場合に、加熱
ガス流の温度のための目標値及び／又は実際値を適合させることができる。
【００８０】
　さらに、加熱需要が減少されている場合に、まず加熱ガス流の温度を低下させることが
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できる。加熱ガス流の温度があらかじめ定められた下限値に達した場合に、さらに、送風
機の適切な開ループ制御及び／又は閉ループ制御によって体積流を減少させることができ
る。
【００８１】
　処理設備が制御装置を有することができ、それを用いて加熱ガスガイド内で案内される
加熱ガス流の少なくとも近似的に一定の温度を維持することができる。その場合に特に、
加熱ガス流を加熱するための熱伝達器を迂回して案内されるバイパス体積流を調節し、特
に所望に変化させることができる。例えば、加熱ガスガイド内で案内される加熱ガス流の
所望の温度を得るために、加熱ガス流を加熱するための熱伝達器を通って案内される体積
流の、バイパス体積流に対する比率を変化させることができる。
【００８２】
　本発明の形態において、加熱ガスガイドがすべての循環空気モジュール及び／又は処理
室区画を迂回するための１つ又は複数のバイパス導管を有することができる。このように
して、特に個々の循環空気モジュール及び／又は処理室区画の望ましくない供給不足を回
避するために、加熱ガス流のリザーブを準備することができる。バイパス導管を用いて、
特に加熱ガスガイドのメイン供給導管内の加熱ガスの過剰提供を維持することができる。
【００８３】
　好ましくはメイン供給導管がその下流側の端部において、及び／又は移送方向に関して
その後方の端部において、バイパス導管内へ連通している。
【００８４】
　バイパス導管は、好ましくはメイン導出導管の上流側の端部において、及び／又は移送
方向に関してその後方の端部において、メイン導出導管内へ連通している。
【００８５】
　バイパス導管は、例えば、加熱ガスを循環空気モジュールへ供給するための加熱ガス導
管の複数の、特にすべての分岐及び／又は分枝の上流に配置されている。その代わりに、
あるいはそれに加えて、バイパス導管は、循環空気モジュールからのガス流をまとめて案
内するための加熱ガスガイドの複数の、特にすべての合流部の下流に、配置することがで
きる。
【００８６】
　さらに、バイパス導管が、加熱ガスを循環空気モジュールへ供給するための加熱ガスガ
イドの複数の、特にすべての分岐及び／又は分枝の下流に配置されていると、好ましい場
合がある。その代わりに、あるいはそれに加えて、バイパス導管は、循環空気モジュール
からのガス流をまとめて案内するための加熱ガスガイドの複数の、特にすべての合流部の
上流に配置することができる。
【００８７】
　バイパス導管を用いて、好ましくは、特に導出部分内で案内されるガス流の温度を常に
凝縮温度の上に維持するために、熱いガスを加熱ガス導管の導出部分内へ直接導入するこ
とができる。
【００８８】
　好ましくは、バイパス導管は、加熱ガス導管の供給区画の、移送方向に関して前方の端
部において、加熱ガス導管の供給区画から分岐している。
【００８９】
　バイパス導管は、好ましくは、メイン導出導管の下流側の端部において、及び／又は移
送方向に関してその前方の端部において、加熱ガス導管の導出区画内へ連通している。
【００９０】
　バイパス導管を介して循環空気ガイドを迂回して案内される加熱ガス流の体積流は、好
ましくはバイパス弁によって開ループ制御可能及び／又は閉ループ制御である。
【００９１】
　本発明の他の形態において、圧力センサを用いて加熱ガスガイドのメイン供給導管内の
圧力を求めることができる。特にそれから加熱ガス需要を定めることができる。
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【００９２】
　求められたメイン供給導管内の圧力に従って、好ましくは、制御装置を用いて、加熱ガ
ス流を駆動するための送風機の移送出力、特にベンチレータ回転数が、特にメイン供給導
管内の圧力が常にあらかじめ定められた圧力領域内にあるように、開ループ制御可能及び
／又は閉ループ制御可能である。それによって好ましくは、循環空気ガイドへの確実な熱
供給を保証することができ、過剰供給を準備する必要がなく、且つバイパス導管を介して
循環空気ガイドを迂回する必要がない。
【００９３】
　その代わりに、あるいはそれに加えて、センサ装置を用いて、及び／又は適切なフィー
ドバックによって、流入弁及び／又は排出弁のそれぞれの位置を求めることができ、且つ
加熱ガス流を駆動するための送風機の移送出力、特にベンチレータ回転数を開ループ制御
及び／又は閉ループ制御する場合に、考慮することができる。
【００９４】
　さらに、その代わりに、あるいはそれに加えて、センサ装置を用いて、特に流入弁のす
ぐ下流の、循環空気ガイド内、流入弁内あるいは流入弁における、及び／又は排出弁内あ
るいは排出弁における、ガス流のそれぞれの温度を求めることができ、且つ加熱ガス流を
駆動するための送風機の移送出力、特にベンチレータ回転数を開ループ制御及び／又は閉
ループ制御する際に考慮することができる。
【００９５】
　加熱ガス流を駆動するための送風機の移送出力、特にベンチレータ回転数、を開ループ
制御及び／又は閉ループ制御することによって、好ましくは、処理設備の特に効率的及び
／又はエネルギを節約する駆動が可能である。さらに、好ましくは、バイパス導管なしで
も、循環空気ガイドへの加熱ガスの供給過剰又は供給不足を回避することができる。
【００９６】
　本発明は、さらに、加工対象物を処理する方法に関する。
【００９７】
　これに関して本発明の課題は、加工対象物を簡単且つエネルギ効率よく処理することが
できる方法を提供することである。
【００９８】
　この課題は、本発明によれば、以下のことを有する方法によって解決される：
　別々の循環内で案内される複数のガス流によって、処理設備の処理室の複数の処理室区
画を貫流する；
　処理設備の加熱設備の加熱ガスガイド内で案内される加熱ガス流を用いてガス流を加熱
する。
【００９９】
　本発明に係る方法は、好ましくは、処理設備に関連して説明した特徴及び／又は利点の
１つ又は複数を有している。
【０１００】
　さらに、処理設備は、好ましくは、方法に関連して説明した個々のあるいは複数の特徴
及び／又は利点を有している。
【０１０１】
　本発明に係る方法において、好ましくは、別々の循環内で案内される複数のガス流を加
熱するために、これらの各ガス流の部分流をそれぞれのガス流から導出して、加熱ガス流
の部分流に代えることができる。
【０１０２】
　この明細書及び付属の請求項において、「弁」というのは、特に、導管内の通過量を調
節するための各種の閉鎖部材又は開放部材である。特に弁は、フラップとすることができ
る。
【０１０３】
　循環空気モジュールが、それぞれ循環空気ガイドを有し、あるいはそれを形成すると、
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好ましい場合がある。しかしまた、循環空気モジュールが、循環空気ガイドの単なる一部
であり、すなわち循環空気ガイド内で案内されガス流を駆動するために用いられる部分で
あってもよい。その場合に他の部分が、特に付属の処理室区画である。
【０１０４】
　好ましくは、各循環空気モジュールは、少なくとも１つの送風機と、送風機のすぐ上流
に配置された吸い込み室とを有している。
【０１０５】
　吸い込み室内へ、好ましくは供給通路が連通し、その供給通路を介して加熱ガス供給の
加熱ガス導管、特にメイン供給導管からの加熱ガスが、循環空気モジュールへ供給可能で
ある。このようにして循環空気モジュールの少なくとも１つの送風機を用いて加熱ガスを
、好ましくは加熱ガス導管から吸い出すことができる。
【０１０６】
　加熱ガスを循環空気モジュールへ分配するためのメイン供給導管は、好ましくは処理設
備の移送装置の移送方向に対して平行及び／又は処理室の少なくとも近似的に全長にわた
って延びている。
【０１０７】
　メイン供給導管は、好ましくはハウジングの外部に配置されており、そのハウジング内
部空間が処理室を形成する。
【０１０８】
　さらに、加熱設備がメイン導出導管を有することができ、そのメイン導出導管は処理設
備の移送装置の移送方向に対して平行及び／又は処理室の少なくとも近似的に全長にわた
って延びている。
【０１０９】
　メイン導出導管は、好ましくは、循環空気モジュール及び／又は処理室区画から導出さ
れたガス流を導出するために用いられる。
【０１１０】
　メイン導出導管は、好ましくは、処理室を包囲するハウジングの内部に、特にハウジン
グの内部空間の一部を分割又は分離することによって、配置されている。
【０１１１】
　好ましくは、各循環空気モジュール又は各処理室区画の少なくとも１つの排出弁が、循
環空気モジュール及び／又は処理室区画内で案内されるガス流からガス流を導出するため
に、仕切り壁内に配置されており、その仕切り壁がハウジングの内部空間を処理室とメイ
ン導出導管に分割する。
【０１１２】
　好ましくは、処理設備の形態において、加工対象物、特に車両本体の横移送が設けられ
ている。その場合に車両本体の車両長手軸は、水平且つ移送装置の移送方向に対して垂直
に方向付けされている。
【０１１３】
　処理室区画を通して案内されるガス流のメイン流れ方向が少なくとも近似的に、移送さ
れる車両本体の車両長手軸に対して平行であると、好ましい場合がある。特に、メイン流
れ方向は車両長手軸に対して実質的に平行に、車両本体の回りを前から後ろへ向かってガ
ス流が貫流するように、方向付けすることができる。しかしまた、メイン流れ方向を、車
両本体の回りをガス流が後方から前方へ向かって流れるように、方向付けすることもでき
る。
【０１１４】
　さらに、処理設備において、長手移送を設けることもでき、それにおいて車両長手軸は
移送装置の移送方向に対して平行に方向付けされている。
【０１１５】
　処理設備がメイン処理設備と前処理設備とを有していると、好ましい場合がある。
【０１１６】
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　好ましくは、メイン処理設備と前処理設備は、それぞれ別の加熱ガスガイドを有してい
る。
【０１１７】
　好ましくは、メイン処理設備も前処理設備も有する処理設備は、２つの互いに独立した
、それ自体閉成された加熱ガスガイドを有しており、それらは特に共通の加熱装置と熱的
に連結されている。
【０１１８】
　メイン処理設備は、メイン処理設備を加熱装置の排ガス導出導管と熱的に連結するため
の熱伝達器を有している。
【０１１９】
　さらに、好ましくは、前処理設備は、前処理設備を加熱装置の排ガス排出導管と熱的に
連結するための熱伝達器を有している。
【０１２０】
　メイン処理設備の処理室へ、及び／又は前処理設備の処理室へ新鮮ガスを供給するため
の新鮮ガス供給が熱伝達器を有し、それを用いて新鮮ガス供給が加熱装置の排ガス排出導
管と熱的に連結されていると、好ましい場合がある。
【０１２１】
　１つ又は複数の熱伝達器は、好ましくは排ガス排出導管に接して、あるいはその中に配
置されている。
【０１２２】
　新鮮ガス供給の熱伝達器は、好ましくは排ガス排出導管内の排ガスの流れ方向に関して
、メイン処理設備の熱伝達器の下流又は上流に、及び／又は前処理設備の熱伝達器の上流
又は下流に配置されている。
【０１２３】
　好ましくは、メイン処理設備の熱伝達器は、排ガス排出導管内の排ガスの流れ方向に関
して、前処理設備の熱伝達体の上流又は下流に配置されている。
【０１２４】
　好ましい実施形態において、熱伝達器は加熱装置の排ガス排出導管と次のように、すな
わち加熱装置から導出された排ガスがまず、メイン処理設備の熱伝達体へ、次に前処理設
備の熱伝達体へ、そしてそれに続いて新鮮ガス供給の熱伝達器へ供給され、あるいは供給
可能であるように、連結されている。
【０１２５】
　前処理設備からの排ガスとメイン処理設備からの排ガスは、好ましくは一緒に案内可能
であり、且つ共通の排ガス流として加熱装置へ供給可能である。
【０１２６】
　本発明の形態において、加熱装置の熱伝達器は多段で形成することができる。特に熱伝
達器へ供給すべき媒体は、好ましくは次々と複数の熱伝達段へ供給可能である。
【０１２７】
　熱伝達段は、好ましくは、熱伝達器へ供給すべき媒体が熱伝達段を次々と貫流するよう
に配置され、及び／又はそのように流体的に有効に互いに接続されている。
【０１２８】
　熱伝達器の複数の熱伝達段は、好ましくは、熱伝達器へ供給すべき１つ又は複数の媒体
の流れ方向に関して、及び／又は空間的に、互いに連続するように、特に１列に連続する
ように、配置されている。
【０１２９】
　熱伝達器の複数の熱伝達段は、１方向に空間的に互いに連続して配置することができ、
且つ、媒体、特に第１の媒体によってこの方向に次々と貫流可能である。
【０１３０】
　さらに、熱伝達段は、好ましくは次のように、すなわち熱伝達器へ供給すべき第２の媒
体が熱伝達段を、第１の媒体の貫流順序及び／又は第１の媒体の貫流順序とは逆の貫流順
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序とは異なる貫流順序において貫流するように、流体的に有効に互いに接続されている。
【０１３１】
　複数の熱伝達器が一緒になって熱伝達装置を形成すると、好ましい場合がある。その場
合に熱伝達器は、特に空間的に互いに分離された、及び／又は空間的に互いに隣接する、
熱伝達装置の熱伝達区画である。
【０１３２】
　各熱伝達器及び／又は各熱伝達区画は、好ましくはそれぞれ複数の熱伝達段を有してい
る。
【０１３３】
　熱伝達区画、特にすべての熱伝達区画のすべての熱伝達段は、好ましくは空間的に一列
で互いに連続して配置されており、及び／又は媒体によって直列に次々と貫流可能である
。
【０１３４】
　特に、すべての熱伝達区画の熱伝達段は、熱源を形成する加熱ガスによって次々と貫流
可能とすることができる。加熱ガスは、特に加熱装置の、特に熱的な排ガス浄化装置の、
及び／又は１つ又は複数のガスタービン装置の、排ガスである。
【０１３５】
　好ましくは、ヒートシンクを形成する複数の媒体、特に冷ガスが設けられており、その
冷ガスは加熱ガスからの熱伝達によって加熱される。
【０１３６】
　各熱伝達器に、及び／又は熱伝達区画に、それぞれ加熱すべき冷ガスが関連づけられて
いると、効果的であり得る。各冷ガスは、好ましくはそれぞれ別体の熱伝達器及び／又は
熱伝達区画のみによって、加熱可能である。
【０１３７】
　冷ガスは、例えば加熱ガス、特に生ガス、循環空気などとすることができる。
【０１３８】
　さらに、冷ガスは、特に他の冷ガス、新鮮空気などとすることができる。
【０１３９】
　本発明の形態において、熱伝達器及び／又は熱伝達区画は、一方で加熱ガスにより、他
方では冷ガス、例えば新鮮空気によって、次のように、すなわち加熱ガスと冷ガスが熱伝
達区画を、特に複数の熱伝達段の貫流順序に関して、向流で貫流するように、貫流可能と
することができる。
【０１４０】
　その代わりに、あるいはそれに加えて、熱伝達器及び／又は熱伝達区画が一方で加熱ガ
スにより、他方では冷ガスによって次のように、すなわち冷ガスがそれぞれ先行する熱伝
達段に関して交互に１つ又は複数のより熱い熱伝達段を貫流し、且つ１つ又は複数のより
冷たい熱伝達段を貫流するように、貫流可能とすることができる。その場合により熱い熱
伝達段とより冷たい熱伝達段は、加熱ガスの流れルートに沿った熱伝達段の異なる位置に
よって生じる。
【０１４１】
　熱伝達器及び／又は熱伝達装置は、好ましくは１つ又は複数のパイプ束熱伝達器、特に
コンビネーションパイプ束熱伝達器を有し、あるいはそれから形成されている。
【０１４２】
　熱伝達器及び／又は熱伝達装置は、好ましくは、加熱ガスを案内するために、複数の互
いに対して並列に延びる中空円筒状のパイプを有している。特に、加熱ガスから冷ガスへ
熱を伝達するために、パイプの回りを冷ガスが流れることができる。
【０１４３】
　中空円筒状のパイプを包囲する空間が、複数の分離部材によって複数の互いに分離され
た熱伝達領域に分割されていると、好ましい場合がある。それによって、特に異なる初期
温度（それぞれの熱伝達領域内の加熱ガス及び／又はパイプの温度）を有する熱伝達を可
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能にするために、冷ガスは、パイプの長手方向の延びに沿った様々な位置において所望に
パイプと接触することができる。それによって好ましくは、最終的に冷ガス内の望ましく
ないプロセス、特にクラックプロセス又はその他の化学的及び／又は熱的にもたらされる
遷移を回避するために、冷ガスの過熱を回避することができる。
【０１４４】
　分離部材は、特に分離プレートであって、その分離プレートは中空円筒状のパイプを挿
通させ、及び／又は収容するための開口部を有している。開口部は、好ましくは中空円筒
状のパイプに対して相補的に、特に分離プレートができる限り正確な嵌め合いで中空円筒
状のパイプ上へ挿し嵌めることができるように、形成されている。
【０１４５】
　熱伝達領域は、熱伝達段を定め、及び／又は特に熱伝達段である。
【０１４６】
　好ましくは、パイプ束熱伝達器の中空円筒状のパイプは、互いに異なる冷ガスのための
複数の、特にすべての熱伝達区画にわたって延びている。
【０１４７】
　パイプ束熱伝達器の中空円筒状のパイプが、複数の、特にすべての熱伝達区画の複数の
、特にすべての熱伝達段にわたって延びていると、好ましい場合がある。
【０１４８】
　例えば、加熱ガスは、完全につながったパイプのみを用いてすべての熱伝達区画のすべ
ての熱伝達段を通って案内可能とすることができる。
【０１４９】
　熱伝達領域は、好ましくは、冷ガスが複数の熱伝達領域を通して次々と案内可能である
ように、特に接続ガスガイドを用いて流体的に有効に互いに接続されている。
【０１５０】
　分離部材は、好ましくはパイプの長手延び方向に沿った個々の熱伝達領域の間でガスの
溢流を阻止し、あるいは最小限に抑える。
【０１５１】
　例えばベンチレータ及び／又は送風機を開ループ制御及び／又は閉ループ制御するため
の適切な制御装置を使用しながら、圧力開ループ制御及び／又は圧力閉ループ制御を用い
て、隣接する熱伝達領域の間に圧力勾配が発生可能であり、及び／又は維持可能であると
、好ましい場合がある。
【０１５２】
　隣接する熱伝達領域の間の圧力勾配は、好ましくは次のように、すなわち熱伝達領域か
らより少ない凝縮リスクを有する、より冷たい冷ガスが分離部材を通して、より高い凝縮
リスクを有する比較的熱い冷ガスが内部に配置されている、隣接する熱伝達領域へ流れる
ように、発生可能及び／又は維持可能である。その場合に冷ガスは、特に互いに異なる冷
ガスである。
【０１５３】
　より少ない凝集リスクを有する冷ガスは、特に新鮮空気及び／又は前乾燥機からの空気
である。
【０１５４】
　より高い凝縮リスクを有する冷ガスは、特にメイン乾燥機からの空気である。
【０１５５】
　「凝縮リスク」という概念は、この明細書及び添付の請求項において、それぞれ実際に
存在する温度から冷却した場合に部分的に凝縮する、ガスの傾向である。
【０１５６】
　特に凝縮リスクは、冷ガスが隣接する熱伝達領域からのガスと接触し、及び／又は混合
された場合に、冷ガスからのガス状の溶剤が凝縮する危険である。
【０１５７】
　本発明の形態において、２つの熱伝達領域を２つの分離部材によって互いに分離するこ
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とができ、その場合に２つの分離部材の間に間隙領域が形成され、その間隙領域へ遮断空
気、特に新鮮空気が供給可能である。それによって特に、２つの熱伝達領域の間のガスの
混合及び／又は溢流を阻止し、及び／又は最小限に抑えることができる。
【０１５８】
　１つ又は複数の熱伝達器を用いてガスを加熱する代わりに、あるいはそれに加えて、直
接的な加熱を設けることができる。
【０１５９】
　その場合に例えば、ガスバーナー及び／又はガスタービン、特にマイクロガスタービン
によって、熱い排ガスを発生させることができ、それが加熱ガス流として、あるいは加熱
ガス流の構成要素として、加熱ガスガイドへ供給される。その場合にそれに加えて、特に
、例えば有害物質投入（特にＮＯｘとＣＯ）あるいはその他の、最初に発生された排ガス
の成分の処理室への望ましくない供給を最小限に抑えるために、処理室の上流に排ガス浄
化を設けることができる。
【０１６０】
　１つ又は複数の循環空気モジュール及び／又は循環空気ガイドのために直接的な加熱が
設けられていると、好ましい場合がある。特にこれは、例えばカソード浸漬塗装設備に接
続される、前乾燥機のために、好ましい場合がある。それによって、場合によっては、最
適化された塗料架橋化を得ることができる。
【０１６１】
　この種の直接的な加熱のために、例えばマイクロガスタービンからの排ガスを使用する
ことができる。
【０１６２】
　加熱ガス流に以下のガス流が供給され、あるいは加熱ガス流が以下のガス流によって形
成されると、好ましい場合がある：
　ａ）燃焼装置、例えば１つ又は複数のマイクロガスタービンあるいはガスバーナーの排
ガス、それによって特に基礎負荷がカバーされる；
　ｂ）補助バーナー、特に調整する、及び／又は調整可能な送風機バーナー、例えばいわ
ゆるＬｏｗＮＯｘバーナーの排ガス、それによって負荷交代及び／又は負荷ピークが補償
される；
　ｃ）洗浄ガス、特に洗浄空気、これは、特に安全と冷却の理由から燃焼装置の、特に１
つ又は複数のマイクロガスタービンのハウジングを通して案内される。
　この洗浄ガスは、特に約４０℃と約８０℃の間の温度を有している。
【０１６３】
　この種の加熱ガス流は、特に前乾燥機を加熱するために利用することができる。
【０１６４】
　その代わりに、あるいはそれに加えて、１つ又は複数の循環空気モジュール及び／又は
循環空気ガイドのために、間接的な加熱を設けることができる。特にこれは、例えばカソ
ード浸漬塗装設備に接続されるメイン乾燥機のために効果的であり得る。
【０１６５】
　この種の間接的な加熱のために、例えば熱伝達器を使用することができる。
【０１６６】
　本発明の形態において、加熱ガスガイドが排出空気送風機を有することができ、それは
、特に、循環空気モジュール及び／又は循環空気ガイド内で必要とされなかった、及び／
又はそれを迂回して案内された、過剰な加熱ガスを処理設備の周囲へ、特に外気へ、放出
する。
【０１６７】
　さらに、排出空気送風機は、好ましくは前乾燥機からの所望の排出空気体積流及び／又
は排出空気質量流を保証することができ、それによって直接加熱する際に供給される加熱
ガス流の体積流と、導出される排出空気の体積流及び／又は質量流が釣り合う。そのため
に、例えば２つ又はそれより多い体積流ゾンデ、特に規格体積流ゾンデを使用することが
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でき、その場合に体積流ゾンデは、全体として供給される加熱ガス流の体積流及び／又は
質量流を検出し、及び／又はその場合に体積流ゾンデは、過剰な加熱ガス流の体積流及び
／又は質量流と、処理室から導出された排出空気の体積流及び／又は質量流の合計を検出
し、及び／又は求める。排出空気送風機は、好ましくは、供給された体積流及び／又は質
量流が、導出された体積流及び／又は質量流に相当するように、閉ループ制御される。
【０１６８】
　本発明の形態において、それぞれの循環空気モジュール及び／又はそれぞれの循環空気
ガイドの送風機の代わりに、あるいはそれに加えて、インジェクタ装置を設けることがで
きる。
【０１６９】
　１つ又は複数の循環空気モジュール及び／又は１つ又は複数の循環空気ガイドが、それ
ぞれ１つ又は複数のインジェクタ装置を有していると、好ましい場合がある。
【０１７０】
　インジェクタ装置は、好ましくはインジェクタノズルを有しており、それを用いてガス
流が処理室内へ導入可能である。その場合にインジェクタノズルは、特にインジェクタ原
理に従って処理室へのガス流の供給を可能にする。
【０１７１】
　ガス流は、好ましくは空気、特に過熱された空気である。例えばガス流は、加熱ガス流
である。
【０１７２】
　好ましくは、ガス流は、インジェクタノズルを用いて少なくとも約１０ｍ／ｓ、好まし
くは少なくとも約１５ｍ／ｓ、例えば約２０ｍ／ｓの流れ速度で処理室内へ導入可能であ
る。
【０１７３】
　好ましくは、ガス流は、インジェクタノズルを用いて、最大で約４０ｍ／ｓ、好ましく
は最大で約３０ｍ／ｓ、例えば約２５ｍ／ｓの流れ速度で処理室内へ導入可能である。
【０１７４】
　さらに、ガス流は、インジェクタノズルを用いて、最大で約２００ｍｍ、好ましくは最
大で約１５０ｍｍ、例えば約１００ｍｍのビーム直径で処理室内へ導入可能である。
【０１７５】
　さらに、ガス流は、インジェクタノズルを用いて、少なくとも約１０ｍｍ、好ましくは
少なくとも約５０ｍｍ、例えば約８０ｍｍのビーム直径で処理室内へ導入可能である。
【０１７６】
　好ましくは、ガス流は、インジェクタノズルを用いて、少なくとも約１５０℃、好まし
くは少なくとも約２００℃、例えば少なくとも約２５０℃の温度で処理室内へ導入可能で
ある。
【０１７７】
　さらに、好ましくは、ガス流は、インジェクタノズルを用いて、最大で約５００℃、好
ましくは最大で約４５０℃、例えば最大で約４００℃の温度で処理室内へ導入可能である
。
【０１７８】
　インジェクタノズルを用いて処理室へ供給されるガス流は、特に加工対象物へ、及び／
又は処理すべき加工対象物の内部空間へ向けられ、あるいは向けることができる。
【０１７９】
　本発明の他の好ましい特徴及び利点が、実施例についての以下の説明及び図面表示に対
象である。
【図面の簡単な説明】
【０１８０】
【図１】処理設備の第１の実施形態を図式的に示しており、それにおいて閉成された加熱
ガス供給とそれとは関係のない新鮮ガス供給が設けられている。
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【図２】処理設備の第２の実施形態の、図１に相当する図式的な表示であって、それにお
いて加熱ガス供給の最適化された流れガイドが設けられている。
【図３】処理設備の第３の実施形態の、図１に相当する図式的な表示であって、それにお
いて新鮮ガス供給が加熱ガス供給内へ連通している。
【図４】処理設備の循環空気モジュールを処理設備の処理室の処理室区画と共に示す、図
式的な斜視図である。
【図５】図４の処理室区画を図式的に示す側面図である。
【図６】図４の循環空気モジュールの一部を拡大した表示である。
【図７】図４の循環空気モジュールと処理室区画の下床構造を図式的に示す水平断面図で
ある。
【図８】図４の循環空気モジュールと処理室区画を図７の８－８線に沿って図式的に示す
垂直断面図である。
【図９】図４の循環空気モジュールと処理室区画を図７の９－９線に沿って図式的に示す
垂直断面図である。
【図１０】図４の循環空気モジュールと処理室区画を図７の１０－１０線に沿って図式て
きに示す垂直断面図である。
【図１１】処理設備の第４の実施形態の、図１と同様の図式的な表示であって、それにお
いて前処理設備が設けられている。
【図１２】処理設備の第５の実施形態の、図１と同様の図式的な表示であって、それにお
いて付加的又は代替的なバイパス導管が設けられている。
【図１３】処理設備の第６の実施形態の、図１と同様の図式的な表示であって、それにお
いて付加的又は代替的なバイパス導管が設けられている。
【図１４】処理設備の第７の実施形態の、図１と同様の図式的な表示であて、それにおい
て代替的な新鮮空気供給が設けられている。
【図１５】処理設備の代替的な実施形態の、図９と同様の図式的な表示であって、それに
おいて処理すべき加工対象物の下方且つ処理室内部で案内されるメイン供給導管が設けら
れている。
【図１６】熱伝達装置の第１の実施形態であって、それにおいて加熱すべき冷ガスがより
熱い熱伝達段階とより冷たい熱伝達段階へ可変に供給可能である。
【図１７】熱伝達装置の第２の実施形態の、図１６に相当する図式的な表示であって、そ
れにおいて２つの熱伝達区画が設けられており、その場合に各熱伝達区画に別々の冷ガス
が供給可能である。
【図１８】熱伝達装置の第３の実施形態の、図１６に相当する図式的な表示であって、そ
れにおいて３つの熱伝達区画が設けられており、その場合に中央の熱伝達区画が第１の冷
ガスによって貫流可能であり、その場合に第１と最後の熱伝達区画が同じ１つの他の冷ガ
スによって貫流可能である。
【図１９】熱伝達装置の第４の実施形態の、図１６に相当する図式的な表示であって、そ
れにおいて３つの異なる冷ガスのために３つの熱伝達区画が設けられている。
【図２０】熱伝達装置の第５の実施形態の、図１６に相当する図式的な表示であって、そ
れにおいて２つの熱伝達区画が２つの分離部材によって互いに分離されており、その場合
に２つの分離部材の間の間隙に遮断空気を吹き付けることができる。
【図２１】熱伝達装置の第６の実施形態の図式的な斜視図であって、その熱伝達装置は多
数の熱伝達パイプと、熱伝達装置の異なる熱伝達区画を分離するための、複数の分離プレ
ートとを有している。
【発明を実施するための形態】
【０１８１】
　同一又は機能的に等価の部材には、全図において同一の参照符号が設けられている。
【０１８２】
　図１に図式的に示す、全体を符号１００で示す処理設備の第１の実施形態は、加工対象
物１０２を処理するために用いられる。
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【０１８３】
　処理設備１００は、例えば、加工対象物１０２を乾燥させるための乾燥設備１０４であ
る。
【０１８４】
　加工対象物１０２は、例えば車両本体１０６である。
【０１８５】
　処理設備１００は、好ましくは、前もって塗装された、あるいは他のように処理された
車両本体１０６を乾燥させるために用いられる。
【０１８６】
　加工対象物１０２は、処理設備１００の移送装置１０８によって処理設備１００の処理
室１１２を通して移送方向１１０に移送可能である。
【０１８７】
　処理室１１２は、複数の、例えば少なくとも４つの、特に少なくとも６つの、好ましく
は正確に７つの処理室区画１１４を有し、あるいはこれらの処理室区画１１４によって形
成されている。
【０１８８】
　各処理室区画１１４には、好ましくは別々の循環空気モジュール１１６が関連づけられ
ている。
【０１８９】
　各循環空気モジュール１１６によって、好ましくはガス流が循環内で、特に循環空気ガ
イド１１８内で、案内可能であり、且つそれぞれの処理室区画１１４を通して案内可能で
ある。好ましくはそれぞれ循環空気モジュール１１６とそれぞれ処理室区画１１４が、循
環空気ガイド１１８を形成する。
【０１９０】
　好ましくは、各循環空気モジュール１１６は、循環内で案内されるガス流を駆動するた
めの、１つ又は複数の送風機１２０を有している。
【０１９１】
　各循環空気モジュール１１６及び／又は各処理室区画１１４は、さらに好ましくは、流
入弁１２２と排出弁１２４とを有している。
【０１９２】
　流入弁１２２によって、好ましくは、供給空気流として用いられるガス流が、循環空気
ガイド１１８内で案内されるガス流へ供給可能である。
【０１９３】
　排出弁１２４によって、好ましくは、循環空気ガイド１１８内で案内される空気流の一
部を排出することができる。
【０１９４】
　したがって流入弁１２２と排出弁１２４によって、循環空気ガイド１１８内で案内され
るガス流の交換を実施することができる。循環空気ガイド１１８内で案内されるガス流の
この交換は、特に循環ガイド１１８内で案内されるガス流の所定のパラメータを開ループ
制御及び／又は閉ループ制御するために用いられる。好ましくは特に、それによって循環
空気ガイド１１８内で案内されるガス流の温度を開ループ制御及び／又は閉ループ制御す
ることができる。
【０１９５】
　特に、循環空気ガイド１１８内で案内されるガス流は、加熱ガスの供給によって加熱可
能とすることができる。その場合にこの熱投入は、さらに、処理すべき加工対象物１０２
を加熱し、特に車両本体１０６として形成された加工対象物１０２を乾燥させるために、
用いられる。
【０１９６】
　各循環空気ガイド１１８へ供給すべきガスは、好ましくは加熱ガスであり、その加熱ガ
スは、処理設備１００の加熱設備１２６によって準備することができる。
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【０１９７】
　加熱設備１２６は、好ましくは加熱装置１２８を有しており、その加熱装置は、例えば
熱的な排ガス浄化装置１３０として形成されている。
【０１９８】
　加熱装置１２８によって、好ましくは熱い排ガスを発生させることができ、その排ガス
は排ガス排出導管１３２を介して加熱装置１２８から導出することができる。
【０１９９】
　好ましくは、加熱装置１２６は、さらに、少なくとも１つの熱伝達器１３４を有し、そ
の熱伝達器は、他の媒体の加熱に排ガスの熱を利用するために、排ガス排出導管１３２と
熱的に連結されている。
【０２００】
　この他の媒体は、例えば加熱ガスであって、その加熱ガスは閉成された加熱ガスガイド
１３６内で案内されており、あるいは案内可能である。
【０２０１】
　加熱ガスガイド１３６は、特に循環空気ガイドであって、その循環空気ガイド内で、そ
の中で案内される加熱ガスの少なくとも大部分が循環して案内され、あるいは案内可能で
ある。
【０２０２】
　加熱ガスガイド１３６は、好ましくは加熱ガス導管１８と、加熱ガス導管１３８内で案
内される加熱ガスを駆動するための１つ又は複数の送風機１２０とを有している。
【０２０３】
　加熱設備１２６の熱伝達器１３４によって好ましくは加熱装置１２８の排ガス排出導管
１３２が加熱ガス導管１３８と熱的に連結されている。
【０２０４】
　加熱ガス導管１３８は、好ましくは供給区画１４０を有しており、その供給区画が熱伝
達器１３４を循環空気モジュール１１６と、及び／又は処理室区画１１４と接続する。
【０２０５】
　加熱ガス導管１３８の供給区画１４０を介して、特に加熱された加熱ガスが循環空気ガ
イド１１８へ、そしてそれに伴って処理室区画１１４へ供給可能である。
【０２０６】
　加熱ガス導管１３８は、さらに、導出区画１４２を有しており、それを介して、循環空
気ガイド１１８から導出されたガスが導出可能であり、且つそれを新たに加熱するために
熱伝達体１３４へ供給可能である。
【０２０７】
　加熱ガス導管１３８の供給区画１４０は、好ましくは、加熱ガス流全体を個々の循環空
気モジュール１１６へ、及び／又は処理室区画１１４へ分配するために、複数の分岐１４
４又は分枝１４６を有している。
【０２０８】
　導出区画１４２は、好ましくは、循環空気ガイド１１８から導出された個々の（部分）
ガス流をまとめて案内して、共通のガス流として新たに熱伝達器１３４へ供給することが
できるようにするために、複数の共通ガイド１４８を有している。
【０２０９】
　加熱ガスガイド１３６は、好ましくはさらに、バイパス導管１５０を有しており、それ
を用いて、加熱ガス導管１３８の供給区画１４０を介して循環空気ガイド１１８へ供給さ
れる加熱ガス流全体の部分ガス流を、循環空気モジュール１１６全体及び／又は処理室区
画１１４を迂回して案内可能であり、且つ導出部分１４２へ直接供給可能である。
【０２１０】
　この種のバイパス導管１５０を使用することによって、好ましくは、加熱ガス需要が変
動する場合でも、循環空気ガイド１１８内で常に充分な量の加熱ガスを自由に使用するた
めに、循環空気ガイド１１８の前で加熱ガスの過剰供給を準備することができる。
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【０２１１】
　バイパス導管１５０を介して循環空気ガイド１１８を迂回して案内される加熱ガス流の
体積流は、好ましくはバイパス弁１５２によって開ループ制御可能及び／又は閉ループ制
御可能である。
【０２１２】
　加熱ガスガイド１３６は、好ましくは、送風機１２０及び／又は流入弁１２２及び／又
は排出弁１２４及び／又はバイパス導管１５０のバイパス弁１５２を開ループ制御及び／
又は閉ループ制御するために１つ又は複数の制御装置１５４を有している。
【０２１３】
　したがって１つ又は複数の制御装置１５４を用いて、特に加熱ガス流を循環空気ガイド
１１８へ分配することを開ループ制御及び／又は閉ループ制御することができる。
【０２１４】
　さらに、１つ又は複数の制御装置１５４を用いて、加熱ガス流の全体積流及び／又は温
度が開ループ制御可能及び／又は閉ループ制御可能である。
【０２１５】
　加熱ガスガイド１３６は、さらに、熱伝達体１３４の領域内にバイパス導管１５０を有
している。バイパス導管１５０により、且つこのバイパス導管１５０に関連づけられたバ
イパス弁１５２によって、好ましくは加熱ガス流全体のどの部分体積流を、それを加熱す
るために熱伝達体１３４を通して案内するか、あるいはそれを迂回させるか、を開ループ
制御可能及び／又は閉ループ制御可能である。それによって特に、熱伝達体１３４とバイ
パス導管１５０の下流及び／又は循環空気ガイド１１８の上流で加熱ガス流の一定の温度
を開ループ制御及び／又は閉ループ制御することができる。
【０２１６】
　処理設備１００の形態において、加熱ガス導管１３８、特に加熱ガス導管１３８の供給
区画１４０は、メイン供給導管１５６を有することができる。
【０２１７】
　このメイン供給導管１５６は、好ましくは処理室１１２の外部において移送方向１１０
に対して平行に延びている。好ましくは、循環空気ガイド１１８全体に加熱ガスを供給す
ることができるようにするために、メイン供給導管１５６は少なくとも近似的に処理室１
１２の長さ全体にわたって延びている。
【０２１８】
　加熱ガス導管１３８、特に加熱ガス導管１３８の導出区画１４２は、好ましくはメイン
導出導管１５８を有している。
【０２１９】
　メイン導出導管１５８は、好ましくは処理室１１２の外部に配置されており、あるいは
その中に統合されている。
【０２２０】
　特に、メイン導出導管１５８は、移送方向１１０に対して平行に、及び／又は少なくと
も近似的に、処理室１１２の全長にわたって延びることができる。それによって好ましく
は、循環空気ガイド１１８から導出される（部分）ガス流全体を導出することができる。
【０２２１】
　循環空気ガイド１１８全体を迂回するためのバイパス導管１５０は、好ましくは、メイ
ン供給導管１５６及び／又はメイン導出導管１５８の、移送装置１０８の移送方向１１０
に関して後方の端部に配置されている。
【０２２２】
　処理設備１００は、さらに、新鮮ガスを処理室１１２へ供給するための新鮮ガス供給１
６０を有している。
【０２２３】
　新鮮ガス供給１６０は、好ましくは、新鮮ガス導管１６２と、新鮮ガス導管１６２内で
新鮮ガス流を駆動するための送風機１２０とを有している。
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【０２２４】
　さらに、新鮮ガス供給１６０は、好ましくは熱伝達体１３４を有しており、それを用い
て新鮮ガス導管１６２と加熱装置１２８の排ガス排出導管１３２が熱的に互いに連結され
ている。それによって特に、新鮮ガス供給１６０を介して供給される新鮮ガスが、処理室
１１２へ供給される前に加熱可能である。
【０２２５】
　新鮮ガス導管１６２は、好ましく、加工対象物１０２が処理室１１２内へ導入される入
口区画１６４の領域内で、及び／又は加工対象物１０２が処理室１１２から導出される出
口区画１６６の領域内で、処理室１１２内へ連通している。
【０２２６】
　その場合に特に、入口区画１６４の領域内に入口ロック１６８が、及び／又は出口区画
１６６の領域内で出口ロック１７０が設けられている。さらに、１つ又は複数の中間ロッ
クを設けることができる。
【０２２７】
　新鮮ガスガイド１６０を介して供給される新鮮ガスは、特にロックガスとして用いられ
、そのロックガスによって、循環空気ガイド１１８内で案内されるガスが入口区画１６４
及び／又は出口区画１６６を通って外側へ向かって、処理設備１００の周囲へ放出される
ことを、回避することができる。
【０２２８】
　新鮮ガス流の体積流は、好ましくは入口区画１６４及び／又は出口区画１６６から始ま
って、移送方向１１０に沿って、あるいはそれとは逆に、したがって循環空気ガイド１１
８内で案内されるガス流に対して横方向に流れる横流が生じるように、選択されている。
このことが特に、処理室１１２内で案内されるガス流に不純物及び／又はその他の物質、
例えば溶剤蒸気などが付着することが、処理室１１２の中心へ向かって増大することを、
もたらす。
【０２２９】
　したがって処理設備１００の排ガス導出１７２の上流側の端部は、移送方向１１０に関
して好ましくは実質的に中央において、処理室１１０に配置されている。
【０２３０】
　排ガス導出１７２を介して、特に処理室１１２からの排ガス流が導出可能であり、且つ
好ましくは直接加熱装置１２８へ供給可能である。
【０２３１】
　特に、処理室１１２から導出された排ガスが溶剤を含んでいる場合に、加熱装置１２８
によって、排ガス内に含まれる、及び／又は燃焼の際に遊離するエネルギを利用しながら
浄化を行うことができる。
【０２３２】
　上述した処理設備１００は、以下のように機能する：
【０２３３】
　加工対象物１０２を加熱及び／又は乾燥するために、加工対象物は移送装置１０８によ
って入口ロック１６８を通して処理室１１２内へ移送される。処理室１１２内で加工対象
物１０２は、次々と処理室区画１１４を通過する。
【０２３４】
　個々の、複数の、あるいはすべての処理室区画１１４は、循環して案内されるガス流に
よって貫流され、そのガス流が、加工対象物１０２の温度に対して上昇した温度を有して
いるので、加工対象物１０２はガス流が回りを流れ、及び／又は流れつくことによって加
熱され、あるいはあらかじめ定められた温度を維持する。
【０２３５】
　その場合にまず比較的冷たい加工対象物１０２が、特に移送方向１１０に関して最初の
処理室区画１１４内で最大の熱エネルギを吸収するので、この第１の処理室区画１１４の
循環空気モジュール１１６及び／又は循環空気ガイド１１８は、最大の加熱出力をもたら
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さなければならない。それに続く処理室区画１１４は、好ましくは連続的により低い加熱
出力をもたらす。
【０２３６】
　それぞれの加熱出力は、加熱設備１２６からの加熱ガスがそれぞれの循環空気モジュー
ル１１６及び／又はそれぞれの処理室区画１１４へ供給されることによって、もたらされ
る。
【０２３７】
　この加熱ガスは、最終的に循環空気ガイド１１８内で案内される全ガス流とそれに伴っ
て加工対象物１０２も加熱するために、高められた温度を有している。
【０２３８】
　加熱ガスは、熱伝達体１３４によって加熱装置１２８の熱い排ガスを使用しながら加熱
されることによって、準備される。
【０２３９】
　その場合に例えば、加熱ガスは少なくとも約２００℃の、好ましくは少なくとも約２５
０℃の、例えば約２７０℃の温度に加熱することができる。
【０２４０】
　各循環空気ガイド１１８へ供給される加熱ガス体積流をバランスさせるために、好まし
くは、循環空気ガイド１１８内で案内されるガス流のしかるべき部分体積流が循環空気ガ
イド１１８から導出される。
【０２４１】
　循環空気ガイド１１８全体から導出されたこれらのガス流は、まとめられて新たな加熱
へ、そしてそれに伴って加熱された加熱ガスを準備するために、熱伝達体１３４へ供給さ
れる。
【０２４２】
　特に、加工対象物１０２がそれを乾燥させる場合に健康上重要な物質を放出する場合に
は、そのあまりにも高い濃縮と周囲への望ましくない放出は回避されなければならない。
そのために処理室１１２に、新鮮ガス供給１６０を介して新鮮ガスが供給されて、その新
鮮ガスは、健康上重要な物質を含んだガスと共に排ガス導出１７２を介して導出される。
【０２４３】
　導出された排ガスは、その後、加熱装置１２８内で、特にその中に含まれる物質を燃焼
させることによって、浄化される。
【０２４４】
　加熱装置１２８からの排ガスは、その後、排ガス排出導管１３２を介して導出される。
この排ガス内に含まれる熱は、新鮮ガス供給１６０を介して供給される新鮮ガス及び／又
は加熱ガスガイド１３６内で案内される加熱ガスを加熱するために、利用される。
【０２４５】
　図２に示す処理設備１００の第２の実施形態は、図１に示す第１の実施形態から、実質
的に、加熱ガス導管１３８がメイン分岐部１８０及び／又はメイン合流部１８２を有して
いることによって、区別される。
【０２４６】
　メイン分岐部１８０は、好ましくは、加熱された加熱ガス全流を、メイン供給導管１５
６へ供給する際にすでに、一方で、移送方向１１０に関して最初の循環空気ガイド１１８
へ、そして他方では残りすべての循環空気ガイド１１８へ分配するために、用いられる。
それによって特にメイン供給導管１５６の流れ横断面を最小限に抑えることができる。と
いうのは、加熱ガス流全体を循環空気ガイド１１８全体のために、例えば移送方向１１０
に沿ってメイン供給導管１５６を通して案内する必要がないからである。むしろ、移送方
向１１０に関して最初の、他の循環空気ガイド１１８に比較して最大の加熱出力をもたら
さなければならない、循環空気ガイド１１８のために加熱ガス部分体積流を分岐して、移
送方向１１０とは逆にこの循環空気ガイド１１８へ供給することができる。
【０２４７】
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　メイン合流部１８２は、好ましくは、移送方向１１０に関して最初の循環空気ガイド１
１８から導出された部分ガス流を、他のすべての循環空気ガイド１１８から導入された部
分ガス流と共にまとめて案内するために用いられる。それによって好ましくは、メイン導
出導管１５８の導管横断面を最小限に抑えることができる。
【０２４８】
　そのほかにおいては、図２に示す処理設備１００の第２の実施形態は、構造と機能に関
して図１に示す第１の実施形態と一致するので、その限りにおいて上述した説明が参照さ
れる。
【０２４９】
　図３に示す処理設備１００の第３の実施形態は、図２に示す第２の実施形態から、新鮮
ガス供給１６０が直接加熱ガスガイド１３６内へ連通することによって、実質的に区別さ
れる。
【０２５０】
　したがって処理室１２２へ供給すべき新鮮ガスは、図３に示す処理設備１００の第３の
実施形態においては、加熱ガス導管１３８、特に加熱ガス導管１３８の供給区画１４０を
介して循環空気ガイド１１８とそれに伴ってそれぞれの処理室区画１１４へ供給可能であ
る。
【０２５１】
　その場合に入口ロック１６８と出口ロック１７０は、好ましくは、循環空気によって貫
流可能である。そのために、好ましくは別々の循環空気モジュール１１６あるいはそれぞ
れ隣接する処理室区画１１４の循環空気モジュール１１６が入口ロック１６８に、もしく
は出口ロック１７０に関連づけられている。
【０２５２】
　そのほかにおいて、図３に示す実施形態は構造と機能に関して、図２に示す実施形態と
一致するので、その限りにおいて上述した説明が参照される。
【０２５３】
　上述したすべての実施形態において、さらに、入口区画１６４内及び／又は出口区画１
６６内で付加的な、特に調整され、あるいは調整されない新鮮空気又はその他の新鮮ガス
を供給することができ、それによって好ましくは、処理室１１２からのガスの望ましくな
い流出が回避される。
【０２５４】
　その代わりに、あるいはそれに加えて、調整された、あるいは調整されない新鮮空気又
はその他の新鮮ガスを、特に加熱ガス流を加熱するための熱伝達体１３４のすぐ上流で、
及び／又は加熱ガスガイド１３６内の加熱ガス流を駆動するための送風機１２０のすぐ上
流で、加熱ガス流へ供給することができる。それによって好ましくは、別の新鮮ガス供給
１６０を最小限まで削減し、あるいは完全に回避することができる。特に好ましくは、新
鮮空気又はその他の新鮮ガスを入口区画１６４及び／又は出口区画１６６へ供給するため
の別の通路、導管及び／又は絶縁を省くことができる。
【０２５５】
　図４から１０に示す、循環空気ガイド１１８の実施形態は、図１、２、３又は１１に示
す処理設備１００の循環空気ガイド１１８の例である。
【０２５６】
　その場合に循環空気ガイド１１８の循環空気モジュール１１６は、循環空気ガイド１１
８の処理室区画１１４に関連づけられているので、この処理室区画１１４は、循環空気回
路内で案内されるガス流によって貫流可能である。
【０２５７】
　特に図４、６及び８から１０から読み取ることができるように、循環空気モジュール１
１６に、及び／又は循環空気モジュール１１６及び／又は処理室区画１１４によって形成
される循環空気ガイド１１８に、加熱ガスを供給することができるようにするために、循
環空気モジュール１１６は処理設備１００のメイン供給導管１５６に連結されている。
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【０２５８】
　循環空気モジュール１１６は、循環空気ガイド１１８内でガス流を駆動するための１つ
又は複数の送風機１２０を有している。
【０２５９】
　循環空気ガイド１１８は、好ましくは１つ又は複数の送風機１２０、圧力チャンバ１９
０、処理室区画１１４、還流導管１９２及び／又は吸い込み室１９４を有している。
【０２６０】
　圧力チャンバ１９０は、特に１つ又は複数の送風機１２０のすぐ上流に配置されており
、好ましくは、処理室区画１１４へ供給すべきガス流を均一化し、且つガス流を処理室区
画１１４へ供給するための複数の供給開口部１９６へガス流を分配するために用いられる
。
【０２６１】
　供給開口部１９６を介して処理室区画１１４へ導入されたガス流は、好ましくは部分的
に、１つ又は複数の還流開口部１９８を介して処理室区画１１４から導出可能であり、還
流導管１９２を介して吸い込み室１９４へ供給可能である。
【０２６２】
　供給開口部１９６を介して処理室区画１１４へ供給されたガス流の他の部分は、好まし
くは導出開口部２００を介して循環空気ガイド１１８から、そして処理室区画１１４から
導出可能であり、且つメイン導出導管１５８へ供給可能である。
【０２６３】
　供給開口部１９６、還流開口部１９８及び／又は導出開口部２００は、好ましくは、処
理室チャンバ１１４を通して案内されるガス流の少なくとも大部分が加工対象物１０２の
一方の側へ供給され、あるいは供給可能であって、加工対象物１０２のこの側とは逆の側
において導出可能又は導出されるように、配置されている。それによって好ましくは、処
理室区画１１４の最適化された貫流と加工対象物１０２の最適化された加熱が得られる。
【０２６４】
　特に図５から読み取れるように、好ましくは処理室区画１１４の側壁内に配置されてい
る供給開口部１９６に加えて、他の供給開口部１９６を設けることができ、それらは処理
室チャンバ１１４を下方へ向かって仕切る床２０２内に配置されている。加工対象物１０
２は、これらの付加的な供給開口部１９６によって、好ましくは下方からの流れを受ける
ことができる。特に図４、７及び８から読み取れるように、床２０２内に配置された供給
開口部１９６へのガス流の供給は、圧力チャンバ１９０から床２０２の下方又は床２０２
内に延びる１つ又は複数の床通路２０４を介して行われる。
【０２６５】
　ガス流を付加的な供給開口部１９６へ供給するために、例えば２つのこの種の床通路２
０４が設けられている。
【０２６６】
　これら２つの床通路２０４は、好ましくは還流導管１９２の両側に配置されている（特
に図７を参照）。
【０２６７】
　吸い込み室１９４は、好ましくは１つ又は複数の送風機１２０のすぐ上流に配置されて
いるので、吸い込み室１９４内にあるガスは１つ又は複数の送風機１２０を介して吸い込
むことができる。
【０２６８】
　還流導管１９２は、吸い込み室１９４内へ連通している。さらに、吸い込み室１９４は
、還流導管１９２の下流側に配置された端部によって形成することができる。
【０２６９】
　吸い込み室１９４を介して、好ましくは、メイン供給導管１５６から加熱ガスが循環空
気ガイド１１８内へ供給される。
【０２７０】
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　そのために供給通路２０６が設けられており、その供給通路がメイン供給導管１５６を
吸込室１９４と流体的に有効に接続する。
【０２７１】
　供給通路２０６内に、あるいはその一方又は両方の端部に、好ましくは弁が、特に流入
弁１２２が配置されている（図４から図１０には示されていない）。この弁によって、好
ましくは、循環空気ガイド１１８へ供給される加熱ガスの（体積流の）量が開ループ制御
可能及び／又は閉ループ制御可能である。
【０２７２】
　供給通路２０６が好ましくは吸い込み室１９４内へ連通することによって、１つ又は複
数の送風機１２０を用いて簡単且つエネルギ効率よくメイン供給導管１５６からの加熱ガ
スを、循環空気ガイド１１８内で案内されるガス流に混合することができる。次に１つ又
は複数の送風機１２０と圧力チャンバを貫流することによって、さらに、好ましくは、供
給される加熱ガスと循環空気ガイド１１８内で案内される残りのガス流の均一な混合が保
証されている。
【０２７３】
　したがって処理室区画１１４へ供給されるガス流は、好ましくは、加熱ガスとの混合に
もかかわらず、好ましくは一定の温度を有する均質なガス流である。
【０２７４】
　処理設備１００及び／又は循環空気ガイド１１８の（図示されない）他の実施形態にお
いて、さらに、メイン供給導管１５６からの加熱ガスは、最終的に付加的な供給開口部１
９６によって、処理室区画１１４及び／又は加工対象物１０２の個々の領域を残りの領域
よりも強く加熱するために、直接床通路２０４内へ供給することができる。
【０２７５】
　特に図５から読み取れるように、メイン導出導管１５８は、好ましくは、処理室区画１
１４を包囲するハウジング２０８内に統合されている。
【０２７６】
　ハウジング２０８は、例えば実質的に直方体形状に形成されている。メイン導出導管１
５８は、例えばハウジング２０８の直方体形状の内部空間の一部を分離することによって
、形成されている。その場合に特に、ハウジング２０８の内部空間の上方の角部領域を、
メイン導出導管１５８を形成するために処理室区画１１４から区切ることができる。
【０２７７】
　それに対してメイン供給導管１５６は、好ましくはハウジング２０８の外部に配置され
ている。しかし、メイン供給導管１５６も同様に、ハウジング２０８の内部空間の領域を
区切ることによって形成することができる。上述した循環空気モジュール１１６及びそれ
によって実現される循環空気ガイド１１８は、好ましくは以下のように機能する：
【０２７８】
　送風機１２０によって、ガス流が駆動されて、まず圧力チャンバ１９０へ供給される。
【０２７９】
　場合によっては弁を有することができる、供給開口部１９６を介して、ガス流が処理室
区画１１４内へ導入される。
【０２８０】
　この処理室区画１１４内に、好ましくは少なくとも１つの加工対象物１０２が配置され
ており、その加工対象物はガス流がその回りを流れることによってガス流から熱を吸収し
、それによって加熱される。特にそれによって加工対象物１０２が乾燥される。
【０２８１】
　１つ又は複数の還流開口部１９８と還流導管１９２を介して、処理室区画１１４を通っ
て案内されるガスが導出されて、吸込室１９４へ供給される。この吸込室１９４からその
中にあるガスが最終的に新たに、１つ又は複数の送風機１２０を介して吸い込まれるので
、処理室チャンバ１１４を通して案内されるガスのための循環が形成されている。
【０２８２】
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　処理設備１００の駆動において、循環して案内されるガスは、特に加工対象物１０２へ
の熱伝達に基づいて、冷却される。
【０２８３】
　したがって連続的又は規則的に熱が供給されなければならない。
【０２８４】
　これは、循環空気ガイド１１８内で案内されるガスに比較して加熱された、加熱設備１
２６からの加熱ガスの供給によって行われる。
【０２８５】
　この加熱ガスは、メイン供給導管１５６を介して準備されて、必要に応じて供給通路２
０６を介して分岐されて、吸い込み室１９４へ供給される。特に加熱ガスは、供給通路２
０６を吸い込み室１９４へ接続することにより、１つ又は複数の送風機１２０を用いて必
要に応じてメイン供給導管１５６から吸引される。
【０２８６】
　好ましくは同時に、特に弁、例えば１つ又は複数の排出弁１２４によって形成される導
出開口部２００を介して、循環空気ガイド１１８内で案内されるガス流の一部が循環空気
ガイド１１８から導出される。それによって特に、循環空気ガイド１１８内で案内される
ガス流の全体積流は、加熱ガスの供給にもかかわらず、一定に維持することができる。
【０２８７】
　導出されたガスは、メイン導出導管１５８を介して導出される。
【０２８８】
　好ましくは、例えば図１から３又は１１に示す、処理設備１００は、図４から１０に示
す循環空気モジュール１１６及び／又は処理室区画１１４の複数を有している。循環空気
モジュール１１６及び／又は処理室区画１１４は、好ましくは移送方向１１０に対して垂
直に、それぞれの循環空気ガイド１１８内で案内されるガス流によって貫流可能である。
２つまたはそれより多い循環空気モジュール１１６及び／又は循環空気ガイド１１８の間
の横の流れは、好ましくは最少である。
【０２８９】
　好ましくは、移送方向１１０に対して平行の成分を有する横流れは、処理室１１２から
供給される新鮮ガスのみに基づいて、及び／又は処理室１１２からの排ガスの導出のみに
基づいて（特に図１と２を参照）生じる。
【０２９０】
　上述した処理設備１００及び／又は循環空気モジュール１１６及び／又は循環空気ガイ
ド１１８及び／又は処理室区画１１４の実施形態は、特に加工対象物１０２、特に車両本
体１０６が移送方向１１０に対して横方向に、特に垂直に、処理室１１２を通して移送さ
れる、いわゆる横走行方法において、使用するのに適している。その場合に特に、車両長
手軸は水平且つ移送方向１１０に対して実質的に垂直に方向付けされている。
【０２９１】
　しかし、説明した実施形態は、車両長手方向が移送方向１１０に対して平行に方向付け
されている、加工対象物１０２のいわゆる長手移送においても、使用することができる。
【０２９２】
　図１１に示す処理設備１００の第４の実施形態は、図１に示す第１の実施形態から、実
質的に、処理設備１００がメイン処理設備２２０と前処理設備２２２とを有していること
によって、区別される。
【０２９３】
　メイン処理設備２２０は、例えばメイン乾燥機２２４である。前処理設備２２２は、例
えば前乾燥機である。
【０２９４】
　好ましくは、メイン処理設備２２０は、図１に関して説明した、処理設備１００の第１
の実施形態と実質的に同一に形成されている。
【０２９５】
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　したがって前処理設備２２２は、説明した実施形態のいずれかに基づく、特に第１の実
施形態に基づく、処理設備１００のための選択的な付加部分である。
【０２９６】
　前処理設備２２２は、好ましくは同様に、説明した実施形態のいずれかに基づく、特に
第１の実施形態に基づく、処理設備１００である。
【０２９７】
　前処理設備２２２が、メイン処理設備２２０よりも小さく寸法設計されていると、好ま
しい場合がある。例えば、前処理設備２２２は、メイン処理設備２２０よりも小さい処理
室１１２及び／又は好ましくは少ない処理室区画１１４を有することができる。
【０２９８】
　例えば、前処理設備２２２は、３つか４つの処理室区画１１４のみを有することができ
る。
【０２９９】
　前処理設備２２２は、好ましくは、メイン処理設備２２０の加熱ガスガイド１３６とは
異なる、及び／又は独立した加熱ガスガイド１３６を有している。
【０３００】
　好ましくは前処理設備２２２の循環空気モジュール１１６及び／又は処理室区画１１４
へ、メイン処理設備２２０の加熱ガスガイド１３６とは関係なく、加熱ガスが供給可能で
ある。
【０３０１】
　前処理設備２２２の加熱ガスガイド１３６は、好ましくは別体の熱伝達器１３４によっ
て加熱装置１２８の排ガス排出導管１３２と熱的に連結されている。
【０３０２】
　前処理設備２２２を加熱装置１２８の排ガス排出導管１３２と熱的に連結するための熱
伝達器１３４は、排ガス排出導管１３２内の加熱装置１２８の排ガスの流れ方向に関して
、メイン処理設備２２０を加熱装置１２８の排ガス排出導管１３２と熱的に連結するため
の熱伝達器１３４の上流又は下流に配置することができる。好ましくは前処理設備２２２
の熱伝達器１３４は、メイン処理設備２２０の熱伝達器１３４の下流に配置されている。
【０３０３】
　新鮮ガス供給１６０を加熱装置１２８の排ガス排出導管１３２と連結するための熱伝達
器１３４は、好ましくは、メイン処理設備２２０の熱伝達器１３４の下流及び／又は前処
理設備２２２の熱伝達器１３４の下流に配置されている。それによって大体においては低
い新鮮ガス温度（新鮮空気温度）に基づいて、加熱装置１２８の排ガス内に存在する熱の
利用を最適化することができる。
【０３０４】
　好ましくは処理設備１００全体が、専用の加熱装置１２８を有しており、その加熱装置
によって熱を、メイン処理設備２２０の加熱ガスガイド１３６のためにも、前処理設備２
２２の加熱ガスガイド１３６のためにも、準備することができる。
【０３０５】
　処理設備１００は、新鮮ガスをメイン処理設備２２０の処理室１２へも、前処理設備２
２２の処理室１１２へも供給するための共通の新鮮ガス供給１６０を有することができる
。
【０３０６】
　しかしその代わりに、処理設備１００が２つの新鮮ガス供給１６０を有することもでき
、その場合に一方の新鮮ガス供給１６０がメイン処理設備２２０に関連づけられ、そして
他の新鮮ガス供給１６０が前処理設備２２２に関連づけられている（図には示されていな
い）。
【０３０７】
　前処理設備２２２からの排ガスは、好ましくは前処理設備２２２の排ガス導出１７２に
よってメイン処理設備２２０の排ガス導出１７２へ供給可能である。



(30) JP 2019-505754 A 2019.2.28

10

20

30

40

50

【０３０８】
　したがって前処理設備２２２からの排ガスは、好ましくはメイン処理設備２２０からの
排ガスと一緒に、共通の加熱装置１２８へ供給可能である。
【０３０９】
　処理すべき加工対象物１０２は、好ましくは移送装置１０８、特に唯一の移送装置１０
８によって、まず前処理設備２２２の処理室１１２を通り、次にメイン処理設備２２０の
処理室１１２を通って移送可能である。
【０３１０】
　図１１において、前処理設備２２２とメイン処理設備２２０は、互いに離隔して示され
ている。これは、好ましくは機能方法を説明するためだけに用いられる。しかしまた、前
処理設備２２２とメイン処理設備２２０を互いに直接連続するように配置することもでき
る。例えば、中間ロックとして形成されたロックが、そうでない場合には直接互いに隣接
する処理室１１２を流れ技術的に互いに分離することができる。その場合にこの中間ロッ
クは、同時に、前処理設備２２２の出口ロック１７０とメイン処理設備２２０の入口ロッ
ク１６８を形成する。
【０３１１】
　メイン処理設備２２０に加えて前処理設備２２２が設けられており、且つ別体の加熱ガ
スガイド１３６を有していることによって、特に処理すべき加工対象物１０２の蒸発が激
しい場合、あるいは処理室区画１１４を通して案内されるガス流の汚れが激しい場合に、
全体として処理設備１００に属する処理室１１２の簡単且つ効率的な分割を実現すること
ができる。
【０３１２】
　そのほかにおいて、処理設備１００、特にメイン処理設備２２０も前処理設備２２２も
、それぞれそれ自体、構造と機能に関して図１に示す第１の実施形態と一致するので、そ
の限りにおいてその上述した説明が参照される。
【０３１３】
　図１２に示す処理設備１００の第５の実施形態は、図１に示す第１の実施形態から、実
質的に、加熱ガスガイド１３６が付加的なバイパス導管１５０を有しており、それを用い
て、加熱ガス導管１３８の供給区画１４０を介して循環空気ガイド１１８へ供給すべき加
熱ガス流全体の部分ガス流が、すべての循環空気モジュール１１６及び／又は処理室区画
１１４を迂回可能であり、直接導出区画１４２へ供給可能であることによって、区別され
る。
【０３１４】
　付加的なバイパス導管１５０は、特にメイン供給導管１５６の上流、特に全分岐１４４
及び／又は分枝１４６の上流で、加熱ガス導管１３８の供給区画１４０から分岐している
。
【０３１５】
　付加的なバイパス導管１５０は、メイン供給導管１５６及び／又はメイン導出導管１５
８の、好ましくは移送装置１０８の移送方向１１０に関して前方の端部に、すなわち好ま
しくは処理設備１００の入口区画１６４の領域内に、配置されている。
【０３１６】
　バイパス導管１５０を介して循環空気ガイド１１８を迂回して案内される加熱ガス流の
体積流は、好ましくはバイパス弁１５２によって開ループ制御可能及び／又は閉ループ制
御可能である。
【０３１７】
　好ましくは、付加的なバイパス導管１５０は、特にメイン導出導管１５８の下流で、例
えば合流部１４８全体の下流で、導出区画１４２内へ連通する。
【０３１８】
　この種の付加的なバイパス導管１５０を使用することによって、好ましくは、供給区画
１４０からの部分ガス流は、メイン供給導管１５６とメイン導出導管１５８を迂回しなが
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ら循環空気モジュール１１６及び／又は循環空気ガイド１１８を迂回して案内することが
できる。それによって、導出部分１４２を用いて全体として導出すべきガス流を加熱する
ために、比較的熱いガスを直接導出部分１４２内へ導入することができる。
【０３１９】
　その場合にガス流は、特に、望ましくない凝縮物形成を阻止する温度に加熱される。
【０３２０】
　制御装置１５４によって、バイパス導管１５０のバイパス弁１５２とそれに伴って導出
区画１４２への熱いガスの供給は、好ましくは、導出区画１４２内で案内されるガス流の
実際の温度が常に凝縮温度を上回るように、制御される。特に、あらかじめ定められた最
小の温度目標値に基づく閉ループ制御が設けられている。
【０３２１】
　そのほかにおいて、図１２に示す処理設備１００の第５の実施形態は、構造と機能に関
して図１に示す第１の実施形態と一致するので、その限りにおいてその上述した説明が参
照される。
【０３２２】
　図１３に示す処理設備１００の第６の実施形態は、図２に示す第２の実施形態から、実
質的に、図１２に示す第５の実施形態と同様に付加的なバイパス導管１５０が設けられて
いることによって、区別される。
【０３２３】
　したがって処理設備１００の第６の実施形態は、基礎的な構造と基礎的な機能に関して
図２に示す第２の実施形態と一致するので、その限りにおいてその上述した説明が参照さ
れる。付加的なバイパス導管１５０に関しては、処理設備１００の第６の実施形態は、図
１２に示す第５の実施形態と一致するので、その限りにおいてその上述した説明が参照さ
れる。
【０３２４】
　他の（図示されない）実施形態において、必要な場合には、１つ又は複数のバイパス導
管１５０を補い、あるいは省くことができる。例えば、図３に示す処理設備１００の実施
形態も、必要な場合には、図１２に示す第５の実施形態の付加的なバイパス導管１５０を
有することができる。
【０３２５】
　図１４に示す処理設備１００の第７の実施形態は、図１３に示す第６の実施形態から、
実質的に、新鮮ガス導管１６２が分枝１４６を有しており、その分枝によって選択的に新
鮮ガスの異なる体積流及び／又は質量流がロックガスとして、あるいはまたは加熱ガス流
に加えて供給される新鮮ガスとして、供給可能であることにより、区別される。
【０３２６】
　その場合に新鮮ガス導管１６２は、一方で入口ロック１６８と出口ロック１７０内へ、
他方では加熱ガスガイド１３６内へ、例えば加熱ガスガイド１３６の導出区画１４２内へ
、連通している。
【０３２７】
　この種の新鮮ガス供給１６０によって、一定の新鮮ガス流をロックガスとして使用する
ことができ、それによって処理室１１２へ供給することができる。特に処理室１１２内で
変化するパラメータに依存する、供給される新鮮ガスの可変の割合が、好ましくは加熱ガ
スガイド１３６内の加熱ガス流へ供給される。その場合に特に、新鮮ガスと混合された加
熱ガス流を処理室１１２へ供給する前に調整することができるようにするために、送風機
１２０及び／又は加熱ガスガイド１３６の熱伝達体１３４の上流に供給が設けられている
。
【０３２８】
　そのほかにおいて、図１４に示す処理設備１００の第７の実施形態は、構造と機能に関
して図１３に示す第６の実施形態と一致するので、その限りにおいてその上述した説明が
参照される。
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【０３２９】
　図１５に示す処理設備１００の第８の実施形態は、特に図４から１０に示す実施形態か
ら、実質的に、加熱ガスガイド１３６のメイン供給導管１５６が処理室１１２の内部に延
びていることによって、区別される。
【０３３０】
　その場合にメイン供給導管１５６は、特に、処理すべき加工対象物１０２の下方に延び
ている。
【０３３１】
　メイン供給導管１５６は、特に、例えばフラットな、矩形通路として形成されており、
処理室１１２の床２０２上に固定されている。
【０３３２】
　この種の形態は、特に、メイン供給導管１５６の熱絶縁を省くことを可能にする。
【０３３３】
　好ましくは、簡単な混合フラップが、各循環空気モジュール１１６のメイン供給導管１
５６と還流導管１９２との間に流入弁１２２として設けられている。その場合には、別体
の供給通路２０６は同様に省くことができる。
【０３３４】
　特にメイン供給導管１５６は、移送装置１０８の２つの移送技術レーンの間に配置され
ている。
【０３３５】
　メイン供給導管１５６は、例えば、処理室１１２の内部で加工対象物１０２を加熱する
ための放射部材として用いることができる。
【０３３６】
　メイン供給導管１５６内で案内される加熱ガスの流れ方向は、好ましくは、移送装置１
０８の移送方向１１０に相当する。
【０３３７】
　そのほかにおいて、図１５に示す処理設備１００の実施形態は、構造と機能に関して、
図４から１０に実施形態と一致するので、その限りにおいてその上述した説明が参照され
る。
【０３３８】
　図１６から図２１には、熱伝達装置３００の種々の実施形態が示されており、それらは
上述した熱伝達器１３４の１つ又は複数を形成し、及び／又はそれに代わることができる
。
【０３３９】
　特に、上述した熱伝達器１３４の複数を一緒に、後述する熱伝達装置３００によって形
成することができる。
【０３４０】
　図１６に示す熱伝達装置３００の第１の実施形態は、複数の熱伝達段３０２を有してお
り、順次それらを通して加熱すべき冷ガスを案内することができる。
【０３４１】
　熱を放出する加熱ガスも、熱伝達段３０２を次々と貫流する。
【０３４２】
　その場合に加熱ガスは、例えば多数の中空円筒状のパイプ３０４を貫流し、それらは例
えば４つの熱伝達段３０２を通して線形に延びている。
【０３４３】
　その場合に熱伝達段３０２は、例えば第１の熱伝達段３０２ａ、第２の熱伝達段３０２
ｂ、第３の熱伝達段３０２ｃ及び第４の熱伝達段３０２ｄである。
【０３４４】
　中空円筒状のパイプ３０４を包囲する空間３０６が、冷ガスによって貫流される。
【０３４５】



(33) JP 2019-505754 A 2019.2.28

10

20

30

40

50

　中空円筒状のパイプ３０４を包囲する空間３０６は、複数の分離部材３０８によって分
割されており、それによって互いに分離された熱伝達段３０２が生じる。
【０３４６】
　分離部材３０８は、特に、中空円筒状のパイプ３０４の長手方向に対して実質的に垂直
に延びている。
【０３４７】
　したがって熱伝達段３０２は、特に、熱を放出する加熱ガスと熱を吸収する冷ガスとに
よってクロスフローで貫流される。
【０３４８】
　熱伝達段３０２は、例えば、特に中空円筒状のパイプ３０４に沿った分離部材３０８の
位置に従って、異なる寸法を有することができる。
【０３４９】
　例えば、狭い第１の熱伝達段３０２ａを設けることができ、それに３つのより大きい、
あるいはより幅広の熱伝達段３０２ｂ、３０２ｃ、３０２ｄが連続している。
【０３５０】
　熱伝達段３０２、特に熱伝達段の、中空円筒状のパイプ３０４を包囲し、且つ分離部材
３０８によって互いに分離されている空間３０６は、ガスガイド３１０によって、例えば
冷ガスがあらかじめ定められた順序において熱伝達段３０２を次々と貫流することができ
るように、流体的に有効に互いに接続されている。
【０３５１】
　図１６に示す熱伝達装置３００の第１の実施形態において、冷ガスはまず、第１の熱伝
達段３０２ａを貫流し、次に第４の熱伝達段３０２ｄ、その後第３の熱伝達段３０２ｃ、
そして最後に第２の熱伝達段３０２ｂを次々と通って案内される。
【０３５２】
　加熱ガスは熱伝達段３０２を昇順で貫流するので、熱伝達段３０２内の温度は、第１の
熱伝達段３０２ａから第４の熱伝達段３０２ｄへ向かって低下する。したがって冷ガスは
、まず最も熱い熱伝達段３０２を貫流し、次に残りの熱伝達段３０２を上昇する温度水準
をもって次々と貫流する。
【０３５３】
　熱伝達装置３００を適切に設計することによって、特に、暖めるべき冷ガスの望ましく
ない過熱を回避することができる。それによって特に、冷ガスの個々の成分の物質的遷移
のリスクを減少させ、あるいは完全に回避することができる。
【０３５４】
　図１７に示す熱伝達装置３００の第２の実施形態は、図１６に示す第１の実施形態から
、実質的に、熱伝達装置３００が２つの別々の熱伝達区画３１２を有していることによっ
て、区別される。
【０３５５】
　その場合に各熱伝達区画３１２に、加熱すべき異なる冷ガスが関連づけられている。
【０３５６】
　その場合に加熱ガスの流れ方向に関して上流側に、例えば加熱ガスを加熱するための熱
伝達区画３１２が設けられている。その下流には、例えば新鮮ガス流を加熱するための熱
伝達区画３１２が設けられている。
【０３５７】
　これらの熱伝達区画３１２は、それ自体、それぞれ３つの熱伝達段３０２に分割されて
いる。
【０３５８】
　その場合に加熱ガス流を加熱するための熱伝達区画３１２は、例えば、第１の熱伝達段
３０２ａ、その後第３の熱伝達段３０２ｃそして最後に第２の熱伝達段３０２ｂが次々と
貫流されるように、加熱ガスによって貫流される。
【０３５９】
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　それに対して新鮮ガスを加熱するための熱伝達区画３１２の熱伝達段３０２は、加熱ガ
スと冷ガスによって同じ順序で貫流され、すなわち第１の熱伝達段３０２ａ、その後第２
の熱伝達段３０２ｂそして最後に第３の熱伝達段３０２ｃが次々と貫流される。
【０３６０】
　したがって図１７に示す熱伝達装置３００の第２の実施形態は、特にコンビ熱伝達体で
あって、それを用いて２つの異なる冷ガスが唯一の加熱ガスを使用しながら加熱可能であ
る。
【０３６１】
　図１７からさらに読み取れるように、熱伝達装置３００は１つ又は複数のバイパス導管
１５０を有することができ、それを用いて加熱ガスが、１つ又は複数の熱伝達段３０２を
迂回して案内可能である。さらにその代わりに、あるいはそれに加えて、１つ又は複数の
バイパス導管１５０を用いて複数の冷ガス流を付属の１つ又は複数の熱伝達段３０２を迂
回して案内可能とすることができる。
【０３６２】
　それぞれのバイパス体積流を制御するために、特にバイパス弁１５２を設けることがで
きる。
【０３６３】
　そのほかにおいて、図１７に示す熱伝達装置３００の第２の実施形態は、構造と機能に
関して、図１６に示す第１の実施形態と一致するので、その限りにおいてその上述した説
明が参照される。
【０３６４】
　図１８に示す熱伝達装置３００の第３の実施形態は、図１７に示す第２の実施形態から
、実質的に、冷ガス、特に新鮮ガス流、を加熱するために２つの熱伝達区画３１２が設け
られていることによって区別され、その場合にこれら２つの熱伝達区画３１２の間に、他
の冷ガス、特に加熱ガス流、を加熱するための熱伝達区画３１２が設けられている。
【０３６５】
　したがって他の熱伝達区画３１２の両側に配置されている、２つの熱伝達区画３１２が
一緒になって、冷ガス、特に新鮮ガス流、を加熱するための熱伝達段３０２を形成する。
【０３６６】
　その場合に第１の熱伝達段３０２ａは、例えば加熱ガス流に関して、加熱ガス流を加熱
するための熱伝達区画３１２全体の上流に配置されており、新鮮ガス流を加熱するための
他の熱伝達段３０２ｂ、３０２ｃは、加熱ガス流を加熱するための熱伝達区画３１２の下
流に配置されている。
【０３６７】
　特に図１８に示す形態によって、加熱ガス流をまず新鮮ガス流によって冷却してから、
それが加熱ガス流を加熱するために利用されることによって、加熱ガス流の過熱を減少さ
せることができる。
【０３６８】
　そのほかにおいて、図１８に示す熱伝達装置３００の第３の実施形態は、構造と機能に
関して、図１７に示す第２の実施形態と一致するので、その限りにおいてその上述した説
明が参照される。
【０３６９】
　図１９に示す熱伝達装置３００の第４の実施形態は、図１７に示す第２の実施形態から
、実質的に、３つの異なる冷ガスのために３つの熱伝達区画３１２が設けられていること
によって、区別される。
【０３７０】
　好ましくは、各熱伝達区画３１２は、２つの熱伝達段３０２を有している。
【０３７１】
　加熱ガスの流れ方向に関して、好ましくは、メイン乾燥機用の加熱ガス流を加熱するた
めの熱伝達区画３１２、前乾燥機のための加熱ガス流を加熱するための熱伝達区画３１２
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いる。
【０３７２】
　熱伝達装置３００全体の内部の、特に中空円筒状のパイプ３０４を包囲する空間３０６
全体の内部の、圧力勾配は、好ましくは、場合によって生じる、分離部材３０８を通って
１つの熱伝達段３０２から隣接する熱伝達段へ流れる漏れ流が、望ましくない凝縮をもた
らすことがないように、選択されている。
【０３７３】
　例えば、中央の熱伝達区画３１２内の圧力は、隣接する熱伝達段３１２内におけるより
も高く選択することができるので、中央の熱伝達区画３１２内で案内される冷ガス、特に
前乾燥機のための加熱ガス流は、漏れが生じた場合に隣接する熱交換区画３１２内へ達し
、その逆はない。特にそれによって、好ましくは、高い凝縮リスクを有する熱いガスが、
熱伝達装置３００のより冷たい領域（熱伝達段３０２）内へ達することを、回避すること
ができる。
【０３７４】
　そのほかにおいて、図１９に示す熱伝達装置３００の第４の実施形態は、構造と機能に
関して図１７に示す第２の実施形態と一致するので、その限りにおいてその上述した説明
が参照される。
【０３７５】
　図２０に示す熱伝達装置３００の第５の実施形態は、図１９に示す第４の実施形態から
、実質的に、２つの隣接する熱伝達区画３１２の間に２つの分離部材３０８が配置されて
いることによって、区別される。
【０３７６】
　その場合に２つの分離部材３０８の間の間隙領域３１４は、例えば遮断ガス、例えば遮
断空気、特に新鮮ガスによってすすぐことができる。それによって、隣接する熱伝達区画
３１２の間の望ましくないガス交換を回避することができる。
【０３７７】
　そのほかにおいて、図２０に示す熱伝達装置３００の第５の実施形態は、構造と機能に
関して、図１９に示す第４の実施形態と一致するので、その限りにおいてその上述した説
明が参照される。
【０３７８】
　図２１には、熱伝達装置３００の図式的な斜視図が示されている。
【０３７９】
　この表示は、単なる例として、中空円筒状のパイプ３０４と分離部材３０８を有してい
る。
【０３８０】
　その場合に分離部材３０８には、通路３１６及び／又は中空円筒状のパイプ３０４のた
めの収容部３１８が設けられている。特に分離部材３０８は、中空円筒状のパイプ３０４
の束の上へ滑らせて取り付けることができる。
【０３８１】
　分離部材３０８は、特にプレート形状又は平坦に形成されている。
【０３８２】
　図２１に示す熱伝達装置３００の実施形態は、特にパイプ束熱伝達器３２０であって、
上述した熱伝達器１３４及び／又は熱伝達装置３００のすべてのために使用することがで
きる。
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【図１９】 【図２０】



(41) JP 2019-505754 A 2019.2.28

【図２１】



(42) JP 2019-505754 A 2019.2.28

10

20

30

40

【国際調査報告】



(43) JP 2019-505754 A 2019.2.28

10

20

30

40



(44) JP 2019-505754 A 2019.2.28

10

20

30

40



(45) JP 2019-505754 A 2019.2.28

10

20

30

40



(46) JP 2019-505754 A 2019.2.28

10

20

30

40



(47) JP 2019-505754 A 2019.2.28

10

20

30

40



(48) JP 2019-505754 A 2019.2.28

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,ST,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,T
J,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,R
O,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,
BA,BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DJ,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,G
T,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JP,KE,KG,KH,KN,KP,KR,KW,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY
,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,
TR,TT,TZ

(72)発明者  オリバー　イグラウアー
            ドイツ連邦共和国，７０４６９　シュトゥットガルト，ハーガウシュトラーセ　２７
(72)発明者  ケビン　ボール
            ドイツ連邦共和国，７４３６０　イルスフェルト，リンデンシュトラーセ　１／１
(72)発明者  ディートマー　ビーラント
            ドイツ連邦共和国，７１３３６　バイブリンゲン，イム　ライスガー　３２
Ｆターム(参考) 3L113 AA03  AB02  AC03  AC65  BA33  CA08  CB25  CB27  CB36  DA02 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

